dle § 44 zédkona ¢. 137/2006 Sb., o vefeinych zakazkach, v platném znéni

pro zpracovani nabidky k nadlimitni vefejné zakadzce na dodavky zadané v
otevieném zadavacim fizeni s nazvem:

Dodavka univerzainiho multifunkénih
depozicniho zafizeni s diagnostikam

@

pro projekt NTIS

Zadavatel: Zapadocleska univerzita v Plzni



Nazev verejné zakazky:

Zadavatel:
Sidlo:

IC:

DIC:

Osoba opravnéna
jednat za zadavatele:

Kontaktni osoba:
Telefon:
Fax:

Email:

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE DO VASI BUDOUCNOST!

Dodavka univerzalniho multifunkéniho depozicniho

zafizeni s diagnostikami pro projekt NTIS

Zapadoceska univerzita v Plzni
Univerzitni 8, 306 14 Plzen
49777513

CZ49777513

Doc. Ing. FrantiSek Vavra, CSc.
dékan Fakulty aplikovanych véd, z povéieni

Jitka RuziCkova
+420 37763 1311
+420 37763 1302

cibulkov@ntis.zcu.cz

Pfi zadavani této vefejné zakazky postupuje zadavatel vyjma zakona i podle Pravidel pro
vybér dodavatelli v ramci Operaéniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace (dale jen OP
VaVpl), které jsou pfilohou &. 2 priruéek pro Zadatele a pfijemce OP VaVpl, v platném znéni.

Zadavaci dokumentace je zpracovana v ceském jazyce, vyjma podrobné specifikace
pfedmétu plnéni uvedené v piiloze ¢. 4 — cast A této zadavaci dokumentace, ktera je
zpracovana s ohledem na mozné zahrani¢ni subdodavatele, resp. vyrobce zarizeni, rovnéz
v anglickém jazyce (viz pfiloha ¢. 4 — ¢ast B). V pripadé rozporu obou jazykovych verzi ma
prednost jazykova verze Ceska.

Nové technologie pro informaéni spole¢nost (NTIS)
CZ.1.05/1.1.00/02.0090

Nazev projektu:
Cislo projektu:

1 VYMEZENi PREDMETU PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

1.1 Predmét verejné zakazky
Pfedmétem vefejné zakazky je dodavka jednoho kusu depozi¢niho zafizeni pro
fizenou pfipravu tenkovrstvych materiald s raznymi diagnostikami skladajiciho se
z nasledujicich &asti: Hlavni depoziéni komora (mezni tlak 10° Pa) o praméru 55 az
61 cm a vySce 43 az 46 cm, vakuovy cerpaci systém, &tyfi plazmové magnetronove
zdroje (primér terée 5 cm), jeden kruhovy magnetron (primér ter¢e 10 cm)
s nastavitelnym magnetickym polem, hmotnostni filtr klastr, méfeni tlaku pracovniho
plynu, drzak substrati o priméru 10 cm s moznosti rotace, ohfevu do 850°C a
zaporného predpéti, systém pro vyménu vzork( bez zavzdu$néni depozi¢ni komory
(load-lock), pfivod pracovnich plynl pro nezavislé fizené napousténi az &tyf plynt do
depoziéni komory, fizené elektrické zdroje pro cinnost vS8ech magnetront
(vysokovykonovy unipolarni pulzni zdroj, dualni pulzni zdroj s opakovaci frekvenci az
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350 kHz pro dvojici magnetront, stejnosmérny kontinualni zdroj a dva radiofrekvencni
zdroje), elektrické sondy pro méfeni napéti a proudu elektrickych zdroju s USB
osciloskopem, chladici systém a fidici systém depozi¢ni aparatury.

Dale jsou soucasti zafizeni nasledujici systémy pro diagnostiku vybojového plazmatu
a tenkovrstvych materialll béhem jejich vytvareni a pocitacové fizeni experimentu:
Monitor tloustky rostouci vrstvy, systém pro ¢asové a prostorové rozliSenou optickou
emisni spektroskopii, systém Langmuirovy sondy s prostorovym a ¢&asovym
rozliSenim, systém pro chromatografickd méfeni, analyzator procesniho plynu a
softwarové a hardwarové vybaveni pro pocitacové fizeni experimentl (dale téz
,Zafizeni‘). Podrobna specifikace pfedmétu pinéni je uvedena v pfiloze &. 4 této
zadavaci dokumentace: Technické podminky Zafizeni.

Nedilnou soucasti pfedmétu pinéni je dodani pfedmétu pinéni do mista pinéni,
instalace a montaz, kalibrace a uvedeni do provozu v€etné provéfeni bezchybné
funkénosti, technické dokumentace a uzivatelskych priruéek (v ¢eském nebo
anglickém jazyce, v listinné nebo elektronické podobé), predvedeni vSech obligatorné
pozadovanych funkci a parametrd. Na dodaném predmétu pInéni provede dodavatel
zaskoleni obsluhy zadavatele v rozsahu 8 (osmi) hodin pro 2 (dvé) osoby (obsahovou
napini bude zvladnuti obsluhy predmétu pinéni, vSech jeho soucasti a softwaru).

Predmét verejné zakazky musi byt novy, piné funkéni, kompletni a musi byt vybaven
plnohodnotnym softwarem, véetné poctu licenci specifikovaného v pfiloze €. 4 této
zadavaci dokumentace tak, aby bylo mozné jeho pIné vyuziti.

Klasifikace predmétu pinéni vefejné zakazky dle ciselniku CPV odpovida
polozce:
38000000-5 Laboratorni, optické a presné pfistroje a zafizeni (mimo skel)

Doba pinéni verejné zakazky

Zahajeni: od uzavieni smlouvy

Ukonéeni nejpozdéji do: 28 tydnl od uzavieni smlouvy, z toho dodani systému
OES (viz polozka P vprfiloze ¢ 4 této zadavaci
dokumentace) do 25 tydni od uzavieni smlouvy a
dodani hmotnostniho filtru klastri a analyzatoru
procesniho plynu (viz polozka E a S v pfiloze €. 4 této
zadavaci dokumentace) do 27 tydnG od uzavieni
smlouvy

Misto pInéni verejné zakazky
Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitni 22, Plzer.

Predpokladana hodnota verejné zakazky
Predpokladana hodnota verejné zakazky bez DPH: 25.000.000,- K&

V pfipadé, ze uchaze¢ nabidne vy$$i nabidkovou cenu nez je 28.000.000,- K& bez
DPH, bude ze zadavaciho fizeni vylou¢en z divodu nespinéni zadavacich podminek.
Zadavatel nedisponuje vys$simi finan¢nimi prostfedky.
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2 PODMINKY A POZADAVKY NA ZPRACOVANIi NABIDKY

Nabidky se podavaji pisemné avfadné uzaviené obalce. Zadavatel doporucuje opatfit
obalku na uzavienich oznacenim obchodni firmy/nazvem arazitkem ¢&i podpisem
statutarniho organu uchazece nebo osoby opravnéné zastupovat uchazece. Obalka musi byt
oznaéena nazvem ,Neotevirat — VZ: Dodavka univerzalniho multifunkéniho
depoziéniho zarizeni s diagnostikami pro projekt NTIS“. Na obalce musi byt uvedena
adresa, na niz je mozné zaslat oznameni podle § 71 odst. 6 nebo 7 zakona.

2.1 Nabidky se podavaji nejpozdéji do 12. unora 2014 do 12:00 hodin na adresu sidla
zadavatele, tj. Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitni 8 (podatelna -
pracovni doba 7:00 — 14:00 hodin), 306 14 Plzen. Jiné doruéeni neni povazovano
za radné podani nabidky. Zadavatel nedisponuje elektronickymi prostfedky, které by
umoznily elektronické podani nabidky.

2.2 V nabidce musi byt uvedeny identifikaéni udaje uchazece: obchodni firma nebo
nazev, sidlo, pravni forma, identifikacni €islo osoby, bylo-li pfidéleno, pokud jde o
pravnickou osobu a obchodni firma nebo jméno a pfijmeni, misto podnikani, popfr.
misto trvalého pobytu, identifikacni cislo, bylo-li pfidéleno, pokud jde o fyzickou
osobu. Zadavatel doporucuje uvést dale osobu opravnénou jednat za uchazece,
pfip. osobu opravnénou zastupovat uchazece, kontaktni adresu pro pisemny styk
mezi uchazeem a zadavatelem.

2.3 Nabidka musi byt zpracovana v ¢eském jazyce, vyjma dokladu uvedeného v bodé
3.6.2, amusi obsahovat navrh smlouvy podepsany osobou prokazatelné
opravnénou jednat jménem ¢i za uchazece ve znéni obsazeném v pfiloze €. 5
této zadavaci dokumentace a doklady a informace prokazujici spinéni kvalifikace.
Uchaze¢ je opravnén do navrhu smlouvy doplnit pouze udaje v misté oznaceném
Zlutou barvou. Zadné dal$i zasahy do navrhu smlouvy nejsou pfipustné.

2.4 Soucasti nabidky musi byt v souladu s ustanovenim § 68 odst. 3 zakona rovnéz:

a) seznam statutarnich organt nebo ¢&lent statutarnich organt, ktefi
v poslednich 3 letech od konce I|haty pro podani nabidek byli
v pracovnépravnim, funkénim & obdobném poméru u zadavatele,

b) ma-li dodavatel formu akciové spole€nosti, seznam vlastniki akcii, jejichz
souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny
ve Ihté pro podani nabidek,

c) prohlaseni uchazete o tom, Ze neuzavrel a neuzavie zakazanou dohodu
podle zvlastniho pravniho predpisu v souvislosti se zadavanou vefejnou
zakazkou.

2.5 Zadavatel stanovi délku zadavaci Ihaty na 180 dnl. Zadavaci Ihuta zadina bézet
okamzikem skonceni lhity pro podani nabidek a konéi dnem oznameni zadavatele
o vybéru nejvhodnéjsi nabidky nebo zruSenim zadavaciho fizeni. Zadavaci lhuta se
prodluzuje uchazec¢im, s nimiz muze zadavatel v souladu se zakonem uzavrit
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smlouvu az do doby uzavieni smlouvy dle § 82 odst. 4 zakona nebo do zruSeni
zadavaciho fizeni.

Uchaze¢ predlozi nabidku ve dvou vyhotovenich, z nichz jedno bude oznaceno
nazvem ,Original* a dal$i vyhotoveni ,Kopie“. Uchaze¢ odpovida za to, Zze ,Original*
a ,Kopie“ jsou totozné. V pfipadé nesouladu mezi ,Originalem® a ,Kopii“* ma
prednost ,Original“. Zadavatel doporucuje, aby vSechny listy nabidky byly navzajem
pevné spojeny Ci sesity tak, aby byly dostateéné zabezpeceny pred jejich vyjmutim
z nabidky. V§echny vytisky budou radné citelné, bez skrtd a prepisu.

V8echny stranky nabidky, resp. jednotlivych vytiskt, doporu€uje zadavatel oCislovat
vzestupnou kontinualni fadou.

Zadavatel doporucuje, aby v pfipadé, Zze podava nabidku vice uchaze&l spole¢né
(spole¢na nabidka), uvedli v nabidce téz osobu, ktera bude zmocnéna zastupovat,
tyto uchazece pfi styku se zadavatelem v pribéhu zadavaciho fizeni (se sou¢asnym
doloZzenim pisemného povéieni k zastupovani).

Uchaze¢ predlozi nabidku téZ v elektronické podobé na CD, ato ve formatu *.pdf
(skenovanou), navrh smlouvy bude jesté predlozen ve formatu MS Office nebo
kompatibilnim. V pfipadé nesouladu mezi verzi v elektronické podobé na CD bude
mit pfednost nabidka vyhotovena v pisemné podobé a oznaéena jako ,Original“.

Zadavatel doporucuje, aby byla nabidka predlozena v nasledujici strukture:

2.10.1 kryci list nabidky - na krycim listu budou uvedeny nasledujici udaje: nazev
verejné zakazky, zakladni identifikacni Udaje zadavatele a uchazece (véetné
osob zmocnénych k dalSim jednanim), cena za pifedmét plnéni vefejné
zakazky v ¢lenéni podle zadavaci dokumentace, datum a podpis osoby
opravnéné jednat jménem ¢&i za uchazece. Vzor kryciho listu je obsazen
v priloze ¢. 1 této zadavaci dokumentace.

2.10.2 obsah - musi obsahovat vSechny dale uvedené kapitoly nabidky dle
pozadovaného ¢lenéni, ke kterym budou piifazena Cisla pfislusnych listd,
pfip. stranek.

2.10.3 identifikacni_udaje o uchazeéi — obchodni firma nebo nazev, sidlo, pravni
forma, identifikacni Cislo osoby, bylo-li pridéleno, pokud jde o pravnickou
osobu, a obchodni firmu nebo jméno a pfijmeni, misto podnikani, popfipadé
misto trvalého pobytu, identifikaéni Cislo, bylo-li pfidéleno, pokud jde o
fyzickou osobu. Dale zadavatel doporuéuje uvést DIC, bankovni spojeni,
jména ¢lenu statutarniho organu uchazece ve&. kontaktl (telefon, fax, e-mail,
adresa), povérenou osobu zmocnénou k dalSimu jednani véetné pisemného
povéreni k zastupovani.

2.10.4 doklady prokazuijici _spinéni kvalifikace doporucuje zadavatel predlozit
ve strukture uvedené v bodu 3 této zadavaci dokumentace, viz téZ pfilohy €.
2a3.

2.10.5 dokumenty v souladu s bodem 2.4 zadavaci dokumentace

2.10.6 nabidkova cena v ¢lenéni dle bodu 4 zadavaci dokumentace

2.10.7 navrh _smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i za
uchazece ve znéni obsazeném v pfiloze €. 5 této zadavaci dokumentace,
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2.10.8 g&estné prohlaseni o neexistenci stietu zajmu, jehoz vzor je prilohou €. 6 této
zadavaci dokumentace.

2.11 Zadavatel poskytne odpovédi na dotazy v pisemné formé dle § 49 odst. 2 zakona.

3.1

3.2

3.3

Zadost o dodateéné informace musi byt doruéena na adresu sidla zadavatele,
k rukdm kontaktni osoby. Pisemna zadost musi byt zadavateli doruéena nejpozdéji
6 pracovnich dnu pfed uplynutim IhGty pro podani nabidek. Zadavatel poskytne
dodatecné informace v souladu s ustanovenim § 49 odst. 2 aZ 4 zakona.

KVALIFIKACE DODAVATELE

Kvalifikaci dle § 50 a nasl. zakona splini dodavatel, ktery:

3.1.1 spini zakladni kvalifika¢ni pfedpoklady podle ustanoveni § 53 zakona,

3.1.2 splni profesni kvalifikacni predpoklady podle ustanoveni § 54 zédkona,

3.1.3 predlozi &estné prohlaseni o své ekonomické a finanéni zpusobilosti spinit
veiejnou zakazku,

3.1.4 splni technické kvalifikacni predpoklady podle ustanoveni § 56 zakona.

Doba prokazovani spinéni kvalifikace
3.2.1 Uchazet je povinen prokazat spinéni kvalifikace ve Ihaté pro podani nabidky
uvedené v bodé 2.1 této zadavaci dokumentace.

Zakladni kvalifika¢ni predpoklady
3.3.1 Zakladni kvalifika¢ni predpoklady splfuje dodavatel:

3.3.1.1 ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny cin spachany
ve prospé&ch organizované zloCinecké skupiny, trestny ¢&in uU€asti na
organizované zloc¢inecké skupiné, legalizace vynosu z trestné €innosti, podilnictvi,
pfijeti Uplatku, podplaceni, nepfimého Uplatkarstvi, podvodu, uvérového podvodu,
véetné pripadl, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo uc€astenstvi na takovém
trestném &inu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného
&inu; jde-li o pravnickou osobu, musi tento pfedpoklad splfiovat jak tato pravnicka
osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy &len statutarniho organu, a je-li
statutarnim organem dodavatele ¢&i clenem statutarniho organu dodavatele
pravnicka osoba, musi tento predpoklad splfiovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji
statutarni organ nebo kazdy ¢len statutarniho organu této pravnické osoby; podava-
li nabidku &i Zzadost o UCast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim své
organizaéni slozky, musi tento predpoklad splfiovat vedle uvedenych osob rovnéz
vedouci této organizacni slozky; tento zakladni kvalifikaéni pfedpoklad musi
dodavatel spliiovat jak ve vztahu k Gzemi Ceské republiky, tak k zemi svého sidla,
mista podnikani ¢i bydlisté;

3.3.1.2 ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny &in, jehoZz skutkova
podstata souvisi s pfedmétem podnikani dodavatele podle zvlaStnich pravnich
piedpisti nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného Cinu;
jde-li o pravnickou osobu, musi tuto podminku splfiovat jak tato pravnicka osoba, tak
jeji statutarni organ nebo kazdy ¢len statutarniho organu, a je-li statutarnim
organem dodavatele ¢i ¢lenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba,
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musi tento predpoklad splfovat jak tato pravnickd osoba, tak jeji statutarni organ
nebo kazdy ¢len statutarniho organu této pravnické osoby; podava-li nabidku Ci
zadost o ucast zahraniéni pravnicka osoba prostiednictvim své organizacni slozky,
musi tento predpoklad splfiovat vedle uvedenych osob rovnéz vedouci této
organizacni slozky; tento zakladni kvalifikaéni predpoklad musi dodavatel splfiovat
jak ve vztahu k tzemi Ceské republiky, tak k zemi svého sidla, mista podnikani &i
bydlisté;

3.3.1.3 ktery v poslednich tfech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani
nekalé soutéze formou podplaceni podle zvlastniho pravniho predpisu (§ 49
obchodniho zakoniku);

3.3.1.4 vUuéi jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3 letech neprobéhlo
insolvencni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh
nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje k uhradé nakladi insolvenéniho
fizeni, nebo nebyl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo
zavedena nucena sprava podle zviastnich pravnich predpisq;

3.3.1.5 ktery neni v likvidaci;

3.3.1.6 ktery nema v evidenci dani zachyceny darové nedoplatky, ato jak
v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &i bydli§té dodavatele;

3.31.7 ktery nema nedoplatek na pojistném a na penale na vefejné zdravotni
pojisténi, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani & bydlisté
dodavatele;

3.3.1.8 ktery nema nedoplatek na pojistném a napenale na socialni

zabezpedeni a pfispévku na statni politku zaméstnanosti, ato jak v Ceské
republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &i bydli§té dodavatele;

3.3.1.9 ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocné disciplinarné potrestan,
¢i mu nebylo pravomocné ulozeno karné opatieni podle zvlastnich pravnich
predpist, je-li podle § 54 pism. d) zakona pozadovano prokazani odborné
zpUsobilosti podle zvlastnich pravnich predpist; pokud dodavatel vykonava tuto
¢innost prostrednictvim odpovédného zastupce nebo jiné osoby odpovidajici za
¢innost dodavatele, vztahuje se tento pfedpoklad na tyto osoby;

3.3.1.10 ktery neni veden v rejstfiku osob se zakazem pInéni vefejnych zakazek;

3.3.1:11 kterému nebyla v poslednich 3 letech pravomocné uloZzena pokuta za
umoznéni vykonu nelegalni prace podle zvlastniho pravniho predpisu (§ 5 pism. e)
bod 3 zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisu).

3.3.2 Uchazec¢ prokazuje spinéni zakladnich kvalifikaénich predpokladi predlozenim:
vypisu z evidence Rejstfiku trestd (pro body 3.3.1.1 a 3.3.1.2), potvrzeni
pfislusného finanéniho ufadu a ve vztahu ke spotfebni dani &estného
prohlaseni (pro bod 3.3.1.6), potvrzeni pfislusného organu ¢&i instituce (pro bod
3.3.1.8.), ¢estného prohlaseni (pro body 3.3.1.3 az 3.3.1.5, 3.3.1.7, 3.3.1.9 az
3.3.1.11 zadavaci dokumentace — vzor tohoto ¢estného prohlaseni je obsazen
v pfiloze €. 2 této zadavaci dokumentace).

3.4 Profesni kvalifika¢ni predpoklady
Profesni kvalifikaéni pfedpoklady prokaze dodavatel, ktery:
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3.4.1 predlozi vypis z obchodniho rejstriku, pokud je v ném zapsan, ¢i vypis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ni zapsan,

3.4.2 predlozi doklad o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisu
v rozsahu odpovidajicim prfedmétu verejné zakazky, ti. zejména doklad
prokazujici pfislusné Zivnostenské opravnéni: zivnost volna — Vyroba, obchod a
sluzby neuvedené v prilohach €. 1 az 3 Zivnostenského zakona.

Cestné prohlaseni o své ekonomické a finanéni zptsobilosti

Dodavatel predlozi ¢estné prohlaseni o své ekonomické a finanéni zplsobilosti splnit
vefejnou zakazku;, vzor tohoto ¢estného prohlaseni je obsazen v pfiloze €. 3 této
zadavaci dokumentace.

Technické kvalifikacni predpoklady

Technické kvalifikacni predpoklady spini dodavatel, ktery prediozi:

3.6.1 v souladu s ustanovenim § 56 odst. 1 pism. a) zakona: seznam vyznamnych
dodavek realizovanych dodavatelem v poslednich 3 letech v oblasti, ktera je
totozného ¢&i obdobného charakteru jako je predmét VZ, tj. v oblasti dodavek
laboratornich pfistroji. Uchaze¢ musi prokazat alespon 1 (jednu) dokonéenou
zakazku s finanénim objemem v minimalni vysi 7.000.000,- K& bez DPH.
Pfilohou tohoto seznamu musi byt:

1. osvédceni vydané &i podepsané vefejnym zadavatelem, pokud bylo zboZzi
dodano verejnému zadavatel;

2. osvédceni vydané jinou osobou, pokud bylo zbozi dodano jiné osobé nez
verejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskute¢néni pinéni dodavatele, neni-li
soucasné mozné osvédceni podle bodu 2 od této osoby ziskat z divodu
spocivajicich na jeji strané.

3.6.2 v souladu s ustanovenim § 56 odst. 1 pism. e) zadkona: popis zbozi uréeného
k dodani. Povinnosti uchazece je prokazatelné dolozit spinéni vsech
technickych podminek na zafizeni (viz pfiloha €. 4), napf. na zakladé
uvedeni konkrétnich technickych parametri, technického vykresu nebo
typového oznaéeni vyrobcem.

Zadavatel pripousti predlozeni tohoto dokumentu v anglickém jazyce i v pfipadé
nabidky jinak zpracované v éeském jazyce.

Forma spinéni kvalifikace

3.7.1 Uchaze¢ prokaze spinéni kvalifikace ve vSech pfipadech prostymi kopiemi
prislusnych dokladl (vyjma cestnych prohlaseni). Zadavatel muize pred
uzavienim smlouvy pozadovat predloZeni origindli nebo ovéfenych kopii
dokladu prokazujicich splnéni kvalifikace.

3.7.2 Doklady prokazujici splnéni zakladnich kvalifikaénich predpokladi a vypis
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z obchodniho rejstfiku nesméji byt starsi 90 dnti ke dni podani nabidky.

V pfipadé, kdy je kvalifikace prokazovana prostfednictvim subdodavatele, je dodavatel
povinen zadavateli predlozit smlouvu uzavienou se subdodavatelem, z niz vyplyva
zavazek subdodavatele k poskytnuti pIinéni uréeného k pinéni vefejné zakazky
dodavatelem ¢&i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat
v ramci pIlnéni verejné zakazky, a to alespon v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace podle § 50 odst.1 pism.b) a d) zdkona a doklady prokazuijici spinéni
zakladniho kvalifikaéniho predpokladu podle § 53 odst.1 pism. j) a profesniho
kvalifikacniho predpokladu podle § 54 pism.a) zakona subdodavatelem. Dodavatel
neni opravnén prostfednictvim subdodavatele prokazat spinéni kvalifikace podle § 54
pism. a) zakona.

Bude-li predmét verejné zakazky pinén nékolika dodavateli spoleéné a za timto Ucelem
podaji spole¢nou nabidku, je kazdy z dodavatelli povinen prokazat spinéni zakladnich
kvalifikacnich predpokladii podle § 50 odst. 1 pism. a) zakona a profesniho
kvalifikaéniho predpokladu podle § 54 pism. a) zakona v plném rozsahu. Splnéni
kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d) zakona musi prokazat vSichni dodavatelé
spole¢né. Dodavatelé jsou zarover povinni predlozit smlouvu, ve které je obsazen
zavazek, Ze vsichni tito dodavatelé budou vici vefejnému zadavateli a tfetim osobam
z jakychkoliv pravnich vztaht vzniklych v souvislosti s touto vefejnou zakazkou
zavazani spole¢né a nerozdilné, a to po celou dobu pInéni vefejné zakazky i po dobu
trvani jinych zavazkl vyplyvajicich z verejné zakazky.

Nevyplyva-li ze zvlastniho pravniho predpisu jinak, prokazuje zahrani¢ni dodavatel
splnéni kvalifikace zplsobem podle pravniho fadu platného v zemi jeho sidla, mista
podnikani nebo bydli§té, a to v rozsahu poZzadovaném zakonem a vefejnym
zadavatelem. Pokud se podle pravniho fadu platného v zemi sidla, mista podnikani
nebo bydlité zahraniéniho dodavatele urcity doklad nevydava, je zahrani¢ni dodavatel
povinen prokazat splnéni takové c&asti kvalifikace Cestnym prohlaSenim. Neni-li
povinnost, jejiz spinéni ma byt v ramci kvalifikace prokazano, v zemi sidla, mista
podnikani nebo bydli§té zahraniéniho dodavatele stanovena, ucini o této skutecnosti
Gestné prohlaseni. Doklady prokazujici splnéni kvalifikace predklada zahraniéni
dodavatel v plUvodnim jazyce s pripojenim jejich ufedné ovéfeného prekladu do
Ceského jazyka, pokud zadavatel v zadavacich podminkach nebo mezinarodni
smlouva, kterou je Ceska republika vazana, nestanovi jinak; to plati i v pfipadé,
prokazuje-li spinéni kvalifikace doklady v jiném nez &eském jazyce dodavatel se
sidlem, mistem podnikani nebo mistem trvalého pobytu na Uzemi Ceské republiky.
Povinnost pfipojit k dokladim ufedné ovéfeny preklad do C&eského jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Dusledek nespinéni kvalifikace
Dodavatel, ktery nesplni kvalifikaci v pozadovaném rozsahu nebo nespini povinnost
stanovenou v § 58 zakona, bude zadavatelem vylou€en z ucasti v zadavacim fizeni.
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ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

4.1 Uchazec je povinen uvést celkovou nabidkovou cenu za cely pfedmét pinéni vefejné

zakazky. Zadavatel vtéto verejné zakazce stanovil nasledujici zpUsob stanoveni
nabidkové ceny:

A: Zahrani¢ni uchazedéi:

ZahraniCni uchaze¢ uvede celkovou nabidkovou cenu v korunach ¢eskych (K¢&) bez
dané z pfidané hodnoty. DPH v zakonné vysi uhradi zadavatel.

B: Uchazeéi z Ceské republiky:

Uchazet z Ceské republiky uvede celkovou nabidkovou cenu, a to v &lenéni: cena v K&
bez DPH; sazba DPH v %; celkova DPH v K¢ a celkova cena véetné DPH v K&.

4.2 Celkova nabidkova cena bude stanovena jako nejvy$e pfipustna, maximalni a

4.3

nepfekroCitelna cena véetné vSech poplatkil a veskerych dal$ich nakladu spojenych
s plnénim pfedmétu vefejné zakazky (napr. dopravné, skladné, schvalovaci fizeni,
provedeni predepsanych zkou$ek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatl a
atestll, pfevod prav, pojisténi apod.). Uchaze¢ neni opravnén udtovat zadné dalsi
Castky v souvislosti s predmétem plinéni této verejné zakazky.

Cenu je mozné prekrogit pouze v souvislosti se zménou darovych predpist tykajicich
se DPH.

5 PLATEBNi PODMINKY

5.1

Cena za plnéni vefejné zakazky bude zadavatelem uhrazena v éeské méné na zakladé
dafiového dokladu — faktury. Kupni cena za dodavku zafizeni bude uhrazena v 5
dil¢ich platbach:
1. platba ve vysi 40 % z celkové kupni ceny bez DPH po podpisu kupni smlouvy
opravnénymi zastupci obou stran proti dokumenttim:

— zalohova faktura (jeden original a jedna kopie),

— jeden original kupni smlouvy podepsany opravnénymi zastupci obou smiuvnich
stran.
2. platba ve vy8i 20 % z celkové kupni ceny bez DPH po fadném dodani systému

OES (viz polozka P v priloze €. 4 této zadavaci dokumentace) Zadavateli na misto
pinéni:

— faktura (jeden original a jedna kopie),

~ jeden original protokolu o fadném dodani systému OES kupujicimu na misto
plnéni podepsany povéienymi zastupci obou smluvnich stran.

3. platba ve vySi 10 % zcelkové kupni ceny bez DPH po fadném dodani
hmotnostniho filtru klastrl a analyzatoru procesniho plynu (viz polozka E a S
v pfiloze €. 4 této zadavaci dokumentace) Zadavateli na misto pinéni:
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— faktura (jeden original a jedna kopie),

— jeden original protokolu o fadném dodani hmotnostniho filtru klastrli a analyzatoru
procesniho plynu kupujicimu na misto plnéni podepsany povéfenymi zastupci
obou smluvnich stran.

4. platba ve vysi 20 % z celkové kupni ceny bez DPH po fadném dodani zbyvajicich
Casti Zafizeni Zadavateli na misto plnéni

— faktura (jeden original a jedna kopie),

— jeden original protokolu o radném dodani zbyvajicich ¢asti Zafizeni kupujicimu na
misto plnéni podepsany povérenymi zastupci obou smluvnich stran.

5. platba ve vy$i 10 % z celkové kupni ceny bez DPH po montazi Zafizeni na misté
plnéni, uvedeni Zafizeni do provozu vé. predvedeni veskerych poZzadovanych funkci
a parametru, provedeni zaskoleni pfislusnych pracovnikl/¢leni obsluhy Zafizeni
Zadavatele, vSe vrozsahu uvedeném vtéto zadavaci dokumentaci proti
dokumentim:

— faktura (jeden original a jedna kopie),

— jeden original zavéreéného protokolu o uvedeni dodaného Zafizeni do provozu
a jeden original protokolu o zaskoleni élent obsluhy, oba protokoly podepsané
povérenymi zastupci obou smluvnich stran.

Splatnost faktury bude 30 dnd ode dne prokazatelného doruceni faktury zadavateli.
Zadavatel si vS8ak vyhrazuje pravo jednostranné prodlouzit IhGtu splatnosti darfového
dokladu dle moznosti finanénich prostfedk( uvolfiovanych z OP VaVpl az o 30
kalendarnich dni. Pozdni pridéleni finanénich prostiedkiG z OP VaVpl nezaklada
prodleni zadavatele s hrazenim kupni ceny.

Zadavatel je opravnén zapocist jakoukoli smluvni pokutu, kterou je povinen uhradit
uchazed, proti fakturované c¢astce.

Darflovy doklad — faktura musi obsahovat vSechny nalezZitosti fadného UGéetniho
a danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisl, zejména, nikoliv v§ak
vyluéné, zakona €. 235/2004 Sb., odani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéj$ich
pfedpist. V pfipadé, Zze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je zadavatel
opravnén ji vratit ve Ihaté splatnosti zpét uchazedi k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného zaslani
nalezité doplnéného ¢&i opraveného dokladu. Pfilohou faktury musi byt kopie protokolu
o pfedani a prevzeti plnéni podepsaného obéma smiuvnimi stranami.

V pfipadé prodleni zadavatele s Uhradou faktury je uchaze¢ opravnén uplatnit vuéi

zadavateli pouze smluvni rok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i jen
zapocaty den prodleni s Uhradou faktury.
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6 OBCHODNi PODMINKY

6.1

6.2

Uchaze¢ je povinen podat navrh smlouvy vrezimu zakona ¢. 513/1991 Sb.,,
obchodniho zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to ve znéni, které je pfilohou &.
5 této zadavaci dokumentace stim, Zze uchaze¢ do navrhu smlouvy dopini pouze
vynechané udaje.

Navrh smlouvy musi byt ze strany uchazece podepsan osobou prokazatelné
opravnénou jednat jménem &i za uchazece; original ¢i Gredné ovérena kopie zmocnéni
¢i povéreni musi byt v takovém pripadé soucasti navrhu smlouvy uchazece.

7 HODNOTICI KRITERIA

71

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

Nabidky budou hodnoceny v souladu s ustanovenim § 78 odst. 1 zakona dle

cv v

Zadavatel bude hodnotit celkovou vysi nabidkové ceny za plnéni pfedmétu verejné
zakazky v K& bez DPH.

Pofadi uchaze&l vznikne sefazenim nabidek dle vy$e nabidkové ceny, tj. ceny za
plnéni pfedmétu verejné zakazky v K¢ bez DPH. Vitéznou nabidkou bude nabidka

DALSi POZADAVKY
Uchaze€ je povinen ve své nabidce specifikovat Casti verejné zakazky, které ma
v umyslu zadat jednomu ¢&i vice subdodavatellim a je povinen uvést identifikaéni Gdaje
kazdého subdodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje pravo ovérit si informace poskytnuté uchaze¢em u tietich osob
a uchazec je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veskerou potiebnou souéinnost.

Zadavatel nepfipousti varianty nabidky.

ZPRISTUPNENI ZADAVACi DOKUMENTACE, UVEREJNENI
PREDBEZNEHO OZNAMENI

Zadavaci dokumentace bude uverejnéna v piném znéni na profilu zadavatele,

nachazejicim se na této adrese:
https://profilzadavatelezapadoceskauniverzitavplzni49777513.allycon.eu/, a to ode dne

uveiejnéni oznameni zadavaciho fizeni.

11
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PredbéZzné oznameni bylo uverejnéno dne 7.10.2013, na tomto odkazu
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/440897.

10 OTEVIRANiIi OBALEK S NABIDKAMI

Otevirani obalek prob&hne dne 12. tnora 2014 v 13:00 hodin v sidle zadavatele, v
zasedaci mistnosti UU 207, tj. Univerzitni 22, Plzen. Otevirani obalek jsou opravnéni
se Ucastnit vSichni uchazedi, ktefi podali nabidku ve |huté pro podani nabidek a dals$i
osoby, o kterych to stanovi zadavatel. Z organizaénich divodu se muze za kazdého
uchazeCe otevirani obalek ucastnit pouze jedna osoba. Pfi otevirani obalek se tito
uchazedi prokazi plnou moci vystavenou osobou opravnénou jednat jménem ¢i
za uchazece.

11 SEZNAM PRILOH:
Priloha €. 1: Kryci list nabidky
Pfiloha &. 2: Cestné prohlaseni k prokazani zakladnich kvalifikaénich predpokladti
(vzor)
Pfiloha &. 3: Cestné prohlaseni o ekonomické a finanéni zpGsobilosti (vzor)
Priloha €. 4: Technické podminky Zarizeni (¢ast A — Ceska verze, ¢ast B — anglicka
verze)
Pfiloha €. 5: Navrh kupni smlouvy
Priloha &. 6: Cestné prohlaseni o neexistenci stietu zajmu
Pfiloha €. 7: Povéreni dékana Fakulta aplikovanych véd Zapadoceské univerzity
v Plzni jednat jménem verejné vysoké Skoly

Za zadavatele:

_ Ve /
Dne 20. prosince 2014 / é‘&% C}/

Doc. Ing. FrantiSek Vavra, CSc.
dékan Fakulty aplikovanych véd,
z poveéreni

12



r 4

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vyvoj
INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI pro inovace

Priloha €. 1 zadavaci dokumentace

KRYCI LIST NABIDKY

ZAKLADNI UDAJE:

Nazev verejné zakazky: = Dodavka univerzalniho multifunkéniho depoziéniho
zarizeni s diagnostikami pro projekt NTIS

Zadavatel: Zapadoceska univerzita v Plzni
Sidlo: Univerzitni 8, 306 14 Plzen
IC: 49777513

DIC: CZ49777513

Osoba opravnéna
jednat za zadavatele: Doc. Ing. Franti§ek Vavra, CSc.
dékan Fakulty aplikovanych véd, z povéreni

Uchaze¢: [doplni uchazeg]
Adresa: [dopIni uchazeg]
IC: [dopIni uchazed]
DIC: [dopIni uchazeg]
Osoba opravnéna

jednat za uchazece: [dopIni uchazec]
Bank. spojeni: [dopIni uchazeg]

Osoby zmocnéné
k zastupovani: [doplni uchazeg]

NABIDKOVA CENA - ZAHRANICNi UCHAZEC:

Predmeét pinéni Cena v K¢ bez dané z pridané hodnoty

Univerzalni
multifunkéniho
depozic¢niho zafizeni
s diagnostikami

[doplni uchazeg]

13
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NABIDKOVA CENA - UCHAZEC Z CESKE REPUBLIKY:

s diagnostikami

" & e Cena v K¢ . | CenavKé
Predmét pinéni bez DPH DPHv % | DPH v Ké véetné DPH
Univerzalni
multifunkéniho [doplni [doplni [doplni [doplni
depozi¢niho zarizeni uchazed] uchaze€] | uchazed] uchazec]

Dne [doplni uchazec]

14

[Obchodni firma + podpis opravnéné
osoby - doplni uchazeg]
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Priloha ¢. 2 zadavaci dokumentace

CESTNE PROHLASENI K PROKAZANI
ZAKLADNICH KVALIFIKACNICH
PREDPOKLADU

dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon")

Prohlasuji timto éestné, zZe:

dle § 53 odst. 1 pism. c) zakona

dle § 53 odst. 1 pism. d) zakona

dle § 53 odst. 1 pism. e) zakona

dle § 53 odst. 1 pism. f) zdkona

dle § 53 odst. 1 pism. g) zakona

dle § 53 odst. 1 pism. i) zakona

- dodavatel v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednani nekalé soutéze formou podplaceni
podle zvlastniho pravniho predpisu (§ 49 obchodniho
zakoniku),

- vuéi jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3
letech neprobéhlo insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh
nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo nebyl konkurs
zruSen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici nebo
zavedena nucend sprava podle zvlastnich pravnich
predpisu,

- dodavatel neni v likvidaci,

- dodavatel nema v evidenci dani zachyceny dariové
nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla,
mista podnikani ¢i bydlisté dodavatele — ve vztahu ke
spotiebni dani,

- dodavatel nema nedoplatek na pojistném a na penale
navefejné zdravotni pojisténi, ato jak v Ceské
republice, tak v zemi sidla, mista podnikani ¢i bydlisté
dodavatele,

- ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocné
disciplinarné potrestan & mu nebylo pravomocné
uloZzeno karné opatieni podle zvlastnich pravnich
predpist, je-li podle § 54 pism. d) zakona poZzadovano
prokazani odborné zpusobilosti podle zvlastnich
pravnich predpist; pokud dodavatel vykonava tuto

15
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¢innost prostrednictvim odpovédného zastupce nebo
jiné osoby odpovidajici za €innost dodavatele, vztahuje
se tento predpoklad na tyto osoby;

dle § 53 odst. 1 pism. j) zakona - dodavatel neni veden v rejstiiku osob se zakazem
plnéni verejnych zakazek,

dle § 53 odst. 1 pism. k) zakona - dodavateli nebyla v poslednich 3 letech pravomocné
ulozena pokuta za umoznéni vykonu nelegalni prace
podle zvlastniho pravniho predpisu (§ 5 pism. e) bod 3
zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjSich predpist).

Dne [doplni uchazec]

[Obchodni firma + podpis opravnéné
osoby - doplni uchazeg]
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Priloha €. 3 zadavaci dokumentace

CESTNE PROHLASENIi O
EKONOMICKE A FINANCNI
ZPUSOBILOSTI

Nazev verejné zakazky: Dodavka univerzalniho multifunkéniho depozi¢niho
zarizeni s diagnostikami pro projekt NTIS

Zadavatel: Zapadoceska univerzita v Plzni
Sidlo: Univerzitni 8, 306 14 Plzen

e 49777513

DIC: CZ49777513

Prohlasuji timto Cestné, Ze dodavatel [doplni uchaze€] sidlem [dopIni uchazeg] je ve smyslu
ustanoveni § 50 odst. 1 pism. c) zakona &. 137/2006 Sb., o verfejnych zakazkach, v platném
znéni, ekonomicky a finanéné zpusobily spinit shora uvedenou verejnou zakazku.

Dne [doplni uchazeg]

[Obchodni firma + podpis opravnéné
osoby - doplIni uchazec]
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Priloha €. 4 — ¢ast A zadavaci dokumentace
TECHNICKE PODMINKY ZARIZENI

Povinnosti uchazece je prokazatelné dolozit spinéni vSech niZze uvedenych
technickych podminek na zafizeni, napf. na zakladé uvedeni konkrétnich technickych
parametru, technického vykresu nebo typového oznaéeni vyrobcem.

Zarizeni musi spliovat nasledujici minimalni zakladni parametry:

1. Mezni tlak vakuové komory alespori 5 x 10° Pa.

2. Depoziéni uniformita (rovnomeérnost) vrstev lepsi nez +/- 2.0 % na plose o priméru 10 cm.

3. MozZnost depozice (naprasovani) ze vSech étyf magnetron najednou (jeden magnetron
napéjeny z vysokovykonného pulzniho zdroje, dva z dudiniho zdroje a jeden ze
stejnosmérného zdroje), za soucasné rotace, vyhfivani a RF predpéti vzorku.

4. Presné a reprodukovatelné nastaveni teploty vzorki (5 °C) za soucasného
radiofrekvenéniho predpéti vzorku.

5. Udrzeni (stabilizace) konstantniho tlaku pracovnich plyna ve vakuové komore za pouziti
nasledujicich technik:

e regulace cerpaci rychlosti vakuového systému pomoci Fizeni pozice
deskového ventilu pfi konstantnim pritoku pracovnich plynt (Downstream
control);

e regulace prutoku pracovnich plynu pfi konstantni erpaci rychlosti systému
(neménna pozice deskového ventilu) (Upstream control).

Zarizeni se musi skladat z nize uvedenych €asti a musi umoznit minimalné nasledujici

funkce:

A) Hlavni depozi¢ni (naprasovaci) komora

1. Snadno pfistupna valcovita (vnitfni primér 55-61 cm nebo 22-24 inch; vnitini vyska 43-46
cm nebo 17-18 inch) ultra-vysokovakuova depozi¢ni komora z nerezové oceli, dobre
pfistupna ze vSech stran a vhodna pro naprasovani smérem nahoru [pro tésnéni pfirub je
mozné pouzit médéné nebo gumové tésnéni (napf. fluorokaucukové tésnéni).

2. Standardni otvory:

Ctyfi (4) otvory pro magnetrony, dale pro &erpaci systém, drzak substratti, systém pro
vyménu vzorkl (load lock systém), tlakové mérky, clonku drzaku substrati a
zavzdus$iovaci ventil.

DalSi otvory:
3. Jeden extra otvor pro magnetron umistény ve stfedu dolni pfiruby.

4. Jedno okénko do depozi¢ni komory zabezpecéené proti Uniku radiofrekvenéniho zareni
z komory a kryté clonkou.

5. Jeden viceucelovy otvor pro pfipojeni plynového analyzatoru nebo hledace netésnosti.
6. Specialni otvory:
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e Dva protilehlé pravouhlé otvory (vnitfni primér 150 mm a vnitfni vySka 200 mm)
umisténé symetricky vzhledem k ose prochazejici skrz dva magnetronové terée a
vzhledem k centralni ose depozi¢ni komory.

e Horni hrana vzpfimeného magnetronu alespori 60 mm nad spodnim okrajem otvoru.

e Drazky pro tésnéni pfirub (napf. pro fluorokauéukové tésnéni) vyhloubené do
depozi¢ni komory, aby bylo mozné pouzit deskovou pfirubu bez drazky.

7. Zaslepné pfiruby pro véechny nepouzité otvory.

8. Jeden zavzdus$iovaci ventil.

9. Dvé sady vlozek do komory z nerezové oceli na ochranu stén komory.

10. Pomocny (napf. hydraulicky nebo elektropneumaticky) mechanismus pro manipulaci

s odnimatelnymi tézkymi ¢astmi komory (napf. s hornim vikem).

11. Jedna nahradni horni pfiruba s otvorem DN63CF ve stfedu této pfiruby.

B) Vakuovy ¢erpaci systém

1.

Uzaviraci a $krtici deskovy ventil s krokovym motorem (alespori 1000 pozic) mezi
turbomolekularni vyvévou a hlavni depoziéni komorou vybaveny vstupnim/vystupnim
signalem.

Sirokorozsahova turbomolekularni vyvéva s éerpaci rychlosti alespori 1200 | s™ (pro Ny) a
s magnetickym loziskem alespori pro vysokovakuovy konec vyvévy.

Mérka pro méreni tlaku na vystupu turbomolekularni vyvévy vybavena analogovym
vystupnim signalem.

Vhodna bezolejova mechanicka vyvéva (¢erpaci rychlost alespoil 7,5 | s pro N, mezni
tlak mensi nez 10 Pa) s ventilem proti zpétnému nasati.

C) Plazmové (naprasovaci) zdroje

1.

Ctyfi konfokalni magnetrony (pramér terée 2 inch nebo 5 cm) v ultra-vysokovakuovém
provedeni, které musi umoznit ¢innost ve vyvazeném i nevyvazeném moédu a rovnéz
praci s magnetickymi materialy.

Naklapéci mechanismus pro kazdy magnetron.

Prislusenstvi pro napousténi plynu u terce (gas ring), ochrana ter¢e pifed kontaminaci
z jinych magnetrontl (magnetron chimney) a pneumaticka clona pro kazdy magnetron.

D) Kruhovy magnetron s nastavitelnym magnetickym polem

e Kompatibilita s naprasovacimi teré¢i o primeéru 4" nebo 10 cm
e Kompatibilita magnetronu s UHV
e Primé vodni chlazeni rozprasovaného terce

e Piesny systém pro nezavisly axialni posuv vnitfnich a vnéjSich magneta uvnitf
magnetronu umozniujici zménit tvar magnetického pole a/nebo jeho silu bez
zavzdusnéni naprasovaci komory
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e Vnéjsi pfichyceni magnetronu k naprasovaci komofe (t.j. magnetron je pfimo
prichycen k pfipeviujici pfirubé bez jakékoli prodluzujici ¢asti)

e Maximalni hloubka magnetronu 130 mm (t.j., vzdalenost mezi povrchem tere a
vnitfni stranou pripevAujici pfiruby)

E) Hmotnostni filtr klastru

1. Hmotnostni filtr klastrd se musi skladat z nasledujicich ¢asti

¢ Nerezova komora filtru (kompatibilita s UHV; vstupni a vystupni montazni pfiruby
kompatibilni s pfirubou DN150CF)

¢ lontova optika pro fokusaci klastrového svazku pfi vstupu do filtru
e Vodici iontova optika pro vedeni vyfiltrovaného svazku klastri smérem k substratu

e Fokusacni iontova optika na konci vodici iontové optiky pro ovladani fokusaéniho
bodu klastrového svazku

e Turbomolekularni vyvéva (Cerpaci rychlost alesporn 350 I/s) pro Cerpani filtrové
komory

e Vhodna bezolejova predcerpavaci vyvéva pro turbomolekularni vyvévu (&erpaci
rychlost alespof 5 m®hod.)

e Vhodna tlakova mérka pro nizké tlaky pro méreni uvnitf filtrové komory

e Deskovy ventil na vystupu filtrové komory

¢ Vhodné napajeci zdroje pro klastrovy hmotnostni filtr a iontové optiky

¢ Vhodny software pro ovladani klastrového hmotnostniho filtru a iontovych optik

2. Hmotnostni filtr klastri musi splnit nasledujici technické pozadavky
e Minimalni hmotnost klastrt na vystupu filtru mensi nez 50 amu
e Maximalni hmotnost klastrt na vystupu filtru vétsi nez 20 milioni amu
e Zadné elektricky neutraini klastry ve vystupnim klastrovém svazku
e Hmotnostni rozliSeni + 3% nebo lepsi
e Vzdalenost mezi vystupni pfirubou filtru a Stérbinou fokusaéni iontové optiky 275 mm

F) Méreni tlaku pracovniho plynu

1. Presna kapacitni mérka (s rozsahem 0,1 mbar) pro hlavni naprasovaci komoru
s analogovym vystupnim signalem.

2. Meérka pro nizké a vysoké vakuum nebo meérka s Sirokym rozsahem pro hlavni
naprasovaci komoru vybavena analogovym vystupnim signalem

3. Ochranny uzaviraci ventil (1 ks) pro kapacitni mérku.
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G) Drzak substratu

1

2.
3.

Drzak (1 ks) umoznujici uchyceni nosi¢e vzorku (substrate carrier) o pruméru 4 inch nebo
10 cm a pripojeni radiofrekvenéniho (RF) predpéti.

Jeden standardni nosi¢ vzorku (pramér 4 inch nebo 10 cm)

Dva (2) specialni nosi¢e vzorkl (primér 4 inch nebo 10 cm) vhodné k uchyceni 1 x
kifemikového vzorku (5x35x0.64mm), 1 x kfemikového vzorku (20x20x0.64mm), 1 x
kovového vzorku (20x20x1mm), 1 x sklenéného vzorku (20x20x1mm) a minimalné pét
(5) kifemikovych vzork( (10x10x0.64mm).

Systém plynulé rotace vzork( (az do 20 otaéek min™).

Systém ohrevu vzorku (nejméné do 850 °C) kompatibilni s pracovni atmosférou, které je
prevazné tvorena plyny argonu, kysliku a dusiku o celkovém tlaku do 5 Pa.

Pneumatickd clona umoziujici ochranu vzorkG pfipevnénych na nosi¢i v hlavni
naprasovaci komore.

MozZnost plynule nastavit vzdalenost vzork( od terée (alespori v rozmezi 50 az 100 mm).

H) Systém pro vyménu vzorku bez zavzdusnéni depozi¢ni komory (load lock)

1.

Pomocna vakuova komora umoziujici vyménu nosice vzork( (substrate carrier)
o pruméru 4 inch nebo 10 cm.
Deskovy ventil mezi depozi¢ni komorou a komorou pro vyménu nosice vzorku.

Vhodna bezolejova mechanicka vyvéva (pfidavna vyvéva nebo vyvéva sdilena s hlavni
naprasovaci komorou).

Vhodna turbomolekularni vyvéva (alespori 60 | s™ pro Ny).

Mérka pro kontrolu tlaku v komore pro vyménu nosi¢e vzorkl vybavena analogovym
vystupnim signalem.

I) Privod pracovnich plynu

1.

2.
3.

o

Ctyii nezavislé vstupy pro plyny (Ar, O,, N, a jeden nahradni vstup) do hlavni depozi&ni
komory (mixovani plynu mimo depoziéni komoru neni mozné).

Uzaviratelny pneumaticky ventil pro kazdy pfivod plynu.

Hmotnostni regulator pratoku (4 ks) a jeho ovlada¢ pro kazdy pfivod plynu (100 sccm pro
Ar a 50, 20, 10 sccm pro reaktivni plyny) vybavené analogovym vstupnim/vystupnim
signalem.

Jeden distributor plynu, ktery je mozné pfipojit k jednomu z pfivodl plynu.

Flexibilni trubiky (4 ks) (z nerezové oceli) pro kazdy pfivod plynu, které umozni privedeni
plynu do libovolného mista depoziéni komory.

Nahradni prutokomér pro kazdy pfivod plynu (100, 50, 20 a10 sccm)
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J) Napajeci jednotky (elektrické zdroje)

1. Zdroj pro vysokovykonové pulzni magnetronové naprasovani (HiPIMS):

Obdélnikovy tvar pulzu.

Pramérny vykon 10 kW.

Maximalni napéti v pulzu alespon -2 kV.

Maximalni proud v pulzu alespon 1 kKA.

Minimalni opakovaci frekvence pulzl méné nez 50 Hz.
Maximalni opakovaci frekvence pulzu alespor 500 Hz.
Maximalni délka pulzu alespori 200 ps.

Minimalni délka pulzu méné nez 20 ps.

Signal pro synchronizaci jinych zafizeni.

Konektor pro analogovou kontrolu.

2. Zdroj pro dualni magnetronové naprasovani:

Pramérny vykon 10 kW (5 kW pro kazdy magnetron + nezavisla kontrola vykonu pro
kazdy magnetron).

Maximalni napéti v pulzu alespon -800 V.

Maximalni proud v pulzu alespon 15 A.

Minimalni opakovaci frekvence pulzt 0 kHz (DC maéd).
Maximalni opakovaci frekvence pulzd alespon 350 kHz.
Maximalni zapalné napéti alespori -1500 V.

Minimalni stfida pfi 350 kHz mens$i nez 15 %.
Maximalni stfida pri 350 kHz alespor 45 %.

Signal pro synchronizaci jinych zafizeni (pokud mozno).
Konektor pro analogovou kontrolu.

3. Zdroj pro stejnosmérné (DC) magnetronové naprasovani:

Maximalni napéti alespori -1000 V.
Maximalni proud alespon 1 A.
Konektor pro analogovou kontrolu.

4. Dva (2) vhodné zdroje s ladicimi jednotkami pro radiofrekvenéni (RF) pfedpéti vzorku:

Dostate¢ny vykon (alespon 100 W) pfi dosazeni predpéti na vzorcich alespon -300 V
pfi tlaku 0.5 Pa argonového plynu.

Konektor pro analogovou kontrolu.
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K) Elektrické sondy
1. Jedna vysokoproudova sonda + zesilova¢ pro proudovou sondu (pokud je nutny)
o Sitka pasma alespon 15 MHz
Maximalni stejnosmérny proud alespon 150 A
Maximalni proud v pulzu alespon 500 A
e BNC vystup
2. Ctyfi standardni proudové sondy + zesilovace pro proudovou sondu (pokud jsou nutné)
e Sitka pasma alespori 100 MHz
Maximalni stejnosmérny proud 30 A
Maximalni proud v pulzu alespon 50 A
BNC vystup
3. Jedna vysokonapétova sonda pro standardni vstup osciloskopu (1 MQ BNC)
e Sitka pasma alespori 250 MHz
e Délici pomér 100:1
e Maximalni napéti -4 kV
4. Tii standardni napétové sondy pro standardni vstup osciloskopu (1 MQ BNC)
o Sitka pasma alespor 200 MHz
e Délici pomér 100:1
e Maximalni napéti -1.5 kV
e Délka kabelu alespori 2 m

L) USB osciloskop s ovladacim programem (1 licence)
e USB pfipojeni k pocitaci
 Ctyfi vstupy BNC + externi synchronizaéni signal (trigger)
e Sitka pasma alespori 350 MHz
e Svislé rozliseni alespon 8 bith
e Vyrovnavaci pamét alespon 32 MS
e Funkéni generator
e Spektralni analyzator
e Dekddovani sériové sbérnice

M) Chladici systém

1. Vodou chlazeny chladi¢ s uzavienym okruhem pro chlazeni depozi¢ni aparatury o vykonu
alesponi 4 kW.
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N) Ridici systém depozi¢ni aparatury
1. Osobni pocita¢ s monitorem schopny plné fidit systém depoziéni aparatury (vCetné
schopnosti zpracovani a ulozeni dat véetné vizualizace).

2. Spolehlivé ovladaci jednotky a software (1 licence pro osobni pog¢itac) umoznujici:

Vizualni reprezentaci celého depoziéniho systému.
Ovladani kazdého napéjeciho zdroje (DC, RF, HiPIMS, Dualni).

Zobrazovat a ovladat parametry pracovniho plynu (otevfit/zaviit ventily, aktualni
prutok, zpétna vazba pratoku).

Ovladani pozice deskového ventilu mezi depoziéni komorou a turbomolekularni
VyVévou.

Zobrazeni aktualnich hodnot tlakl a nastavovani pozadovaného tlaku.

Ovladani clony pro kazdy magnetron a drzak substrat.

Ovladani ¢erpaciho systému.

Ovladani systému pro vyménu vzorka.

Ovladani rotace, vytapéni a predpéti vzorku.

Ovladani chladiciho systému.

Vytvaret, ukladat a spoustét procedury pro pripravu jednotlivych vrstev i multivrstev.

Ukladat véechny dllezité vstupni a vystupni parametry béhem depozice (tlak, prutoky
plynli, pozice clon, véechny vystupni hodnoty napdjecich zdroju, rychlost rotace,
predpéti a teplota vzork, atd.).

Uzivatelsky uc¢et umoznujici neomezenou manualni kontrolu depozié¢niho systému.

3. Moznost deaktivovat nasledujici ¢asti ovladaciho systému bez ovlivnéni zbyvajicich
nastaveni:

Ovladani stejnosmérného (DC) zdroje.

Ovladani radiofrekvenéniho (RF) zdroje.

Ovladani vysokovykonového pulzniho (HiPIMS) zdroje.
Ovladani zdroje pro dualni magnetronové naprasovani.

Ovladani parametr( pracovniho plynu (otevrit/zavrit ventily, aktualni prutok, zpétna
vazba prutoku).

Ovladani pozice deskového ventilu.

O) Monitor tloustky rostouci vrstvy

1. Systém pro monitorovani tloustky vrstvy pomoci kfemennych krystal(.

2. Minimalné tficet (30) nahradnich krystalu.

3. Nezbytné pfislusenstvi zahrnujici pfipravek pro nastaveni polohy krystalu.
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P) Systém pro ¢asové a prostorové rozliSenou optickou emisni spektroskopii (systém
OES)

1. Zobrazovaci spektrograf s jednim vstupem a dvéma vystupy pro zobrazovaci detektory

Minimalni ohniskova vzdalenost 750mm.

Apertura 75mm ¢i vétsi.

Optimalizace pro UV-VIS véetné portu pro pro¢istovani.

Presnost spektrografu v nastaveni vinové délky (wavelength accuracy) 0,1nm nebo
lepsi.

Motorizovana vstupni a vystupni stérbina s minimalni Sitkou 10um nebo uzsi.
Elektronicky fizena zatemnovaci jednotka na vstupu (shutter unit).

Motorizovana volba vystupu.

PIné osazena vyménitelna hlava pro minimalné 3 mrizky instalovana ve spektrografu
(mfizky: 3600vr/mm optimalizace UV, 2400vr/mm optimalizace UV-VIS a 1800vr/mm
optimalizace VIS), motorizovana volba mrizky.

DalSi plné osazena vymeénna hlava pro minimalné 3 mfizky (mfizky: 2400vr/mm
optimalizace UV, 1200vr/mm optimalizace UV-VIS a 600vr/mm optimalizace VIS).

Motorizované kolo filtri s minimalné 5 pozicemi.

Spektrograf s echelle mfizkou a vystupem pro étvercovy zobrazovaci detektor

Simultanni zaznam spektra v rozsahu minimalné 220-850nm bez mezer.
Apertura 20mm ¢&i vétsi.

Elektronicky fizena zatemnovaci jednotka na vstupu (shutter unit).
Spektralni rozliseni (MAA) minimainé 6000.

Obdélnikovy ICCD detektor kompatibilni s vystupem zobrazovaciho spektrografu

Integrovany zesilova¢ svétla s primérem minimalné 18mm, s vice nez 10 bitovym
fizenim zesileni, se spektralnim rozsahem minimaliné 200-850nm a kvantovou
uginnosti v oblasti 200-500nm minimainé 10%.

Minimalni rychlost optické zavérky 3ns nebo kratsi.

CCD ¢ip pro spektroskopické pouziti s rozmérem aktivni oblasti minimalné 690x250
pixeld.

16 bitova digitalizace signalu z CCD ¢ipu.

Integrovany generator zpozdéni s rozsahem od maximainé 0,1ns do minimailné 1s a
s krokem po 0,1ns &i krat§im.
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Chlazeni CCD ¢ipu na teplotou -30°C &i nizsi.
Equivalent Background lllumination detektoru maximainé 0,3e7/pixel/s.
Vycitaci Sum detektoru maximainé 18e".

4. Ctvercovy intenzifikovany EMCCD (emICCD) detektor kompatibilni s vystupem echelle
spektrografu a vystupem zobrazovaciho spektrografu

Integrovany zesilova¢ svétla s primérem minimalné 18mm, s vice nez 10 bitovym
fizenim zesileni, se spektralnim rozsahem minimainé 200-850nm a s kvantovou
ucinnosti v oblasti 500-850nm minimalné 5%.

Minimalni rychlost optické zavérky 50ns nebo kratsi.

EMCCD ¢ip pro spektroskopické pouziti s rozmérem aktivni oblasti minimalné
950x950 pixelU.

16 bitova digitalizace signalu z EMCCD C¢ipu.

Integrovany generator zpozdéni s rozsahem od maximainé 0,1ns do minimalné 1s a
s krokem po 0,1ns &i kratSim.

Chlazeni EMCCD ¢ipu na teplotou -30°C &i nizsi.
Equivalent Background lllumination detektoru maximainé 0,3e7/pixel/s.
Vycitaci Sum detektoru maximainé 18e".

Systém pro skenovani spektra véetné 2 pouzder pro fotonasobi¢ kompatibilnich

s vystupni Stérbinou zobrazovaciho spektrografu.

6. Vicekanalové UV-VIS-NIR (pro vinové délky v rozsahu minimalné 200-850nm) optické
vlakno odolné solarizaci o délce 5m

Tii (3) samostatné optické kandly, kazdy kanal sloZzen ze 7 optickych viaken o
praméru 200um.

Jeden konec s osamocenymi kandly o délce 0,50-0,75m, kazdy kanal ukoncen
konektorem SMA.

Na druhém konci jednotliva vidkna umisténa pod sebou (usporadané po jednotlivych
kanalech a s mezerou mezi kanaly) vkonektoru kompatibilnim se vstupem
zobrazovaciho spektrografu.

Aperturni pfizpusobeni vstupu zobrazovaciho spektrografu.

Vlakno umisténé v prichodce do vakua (ve vzdalenosti 1,5-2,0m od konce se
samostatnymi kanaly, tj. od konce sméfujiciho do vakua).

7. Jednokanalové UV-VIS-NIR (pro vinové délky v rozsahu minimainé 200-850nm) optické
vlakno odolné solarizaci o délce 5m a priméru minimalné 600um

Konec sméfujici do vakua opatifen SMA konektorem.
Druhy konec umistén v konektoru kompatibilnim se vstupem echelle spektrografu.
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e Aperturni pfizplsobeni vstupu echelle spektrografu.

Vlakno umisténé v priichodce do vakua (ve vzdalenosti 1,5-2,0m od konce
smérujiciho do vakua).

8. Software (1 licence) pro fizeni v8ech jednotlivych Easti systému OES véetné prislusnych
ovladacu pro vyvojové prostredi LabVIEW, které je sou¢asnym vybavenim zadavatele.
Software musi byt kompatibilni s OS Microsoft Windows, ktery je sou¢asnym vybavenim
zadavatele.

9. Lampa (&i lampy) pro kalibraci vinové délky v rozsahu minimalné 200-850nm a
radiometricky kalibrovana lampa (€i lampy) pro relativni kalibraci spektralni citlivosti
v rozsahu minimalné 200-850nm.

10. Prislusenstvi nutné k piné funkci celého systému OES:

Adaptéry nutné pro instalace detektort na spektrografy.

Adaptéry pro C-Mount objektivy a F-Mount objektivy pro zobrazovaci spektrograf a
oba pozadované detektory.

UV-VIS-NIR objektiv pro C-Mount s pevnou ohniskovou vzdalenosti v rozsahu 25-
35mm, svételnosti minimalné F/4 a optimalizaci v rozsahu vinovych délek minimalné
200-850nm.

Sada band-pass filtr o pruméru 50mm, Sifce pasma (FWHM) maximalné 3nm a
centralnich vinovych délkach (v nm a ve vzduchu): 374,9; 399,5; 434,9; 457,9; 463,1;
488,0; 744,2; 750,4; 777,4; 811,5; 821,6; 844,6. Redukce z predniho Sroubeni UV-
VIS-NIR objektivu na pozadovany pramér band-pass filtru.

Minimalné pét (5) kust kolimaénich Coek optimalizovanych pro rozsah vinovych
délek minimalné 200-850nm, se vstupnim pramérem vrozsahu 20-30mm a
opatrenych na vystupu konektorem SMA pro pfipojeni optického viakna.

Q) Systém Langmuirovy sondy s prostorovym a ¢asovym rozliSenim (systém LP)

1. Langmuirova jednoducha sonda pro pulzni plazma

Délka sondy 500+10mm.
Vzduchové chlazeni sondy.

2. Langmuirova dvojita sonda pro pulzni plazma

Délka sondy 500+10mm.
Vzduchové chlazeni sondy.

3. Kontrolni jednotka kompatibilni s obéma Langmuirovymi sondami

Nejmensi ¢asové rozliseni 15ns nebo kratsi.
Minimalné jeden (1) synchronizaéni vstup.
Rozsah nastavitelného napéti na sondé od -150V do +150V nebo Sirsi.
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Rozsah méreni proud od 20nA do 1A nebo Sirsi.
Méfitelna hustota plazmatu az 1-10"cm™ nebo vétsi.

4. Automaticky linearni posuvny systém kompatibilni s obéma Langmuirovymi sondami

5.

Délka posuvu 450+10mm.
Rozliseni posuvu 0,05mm nebo lepsi.

Ridici software (1 licence) pro systém LP véetné ovladadl pro vyvojové prostiedi

LabVIEW, které je sou¢asnym vybavenim zadavatele. Software musi byt kompatibilni
s OS Microsoft Windows, ktery je sou¢asnym vybavenim zadavatele.

6. Prislusenstvi a nahradni dily nutné k piné funkci celého systému LP jako jsou vakuova
tésnéni, hroty sond atd.

R) Systém pro chromatograficka méreni

1. Pozadovany systém tvori:

Plynovy chromatograf.
Napliova chromatograficka kolona.

Chromatograficka stanice (véetné A/D prevodniku) umoznujici vypocet koncentraci
mérenych. plynl a archivaci dat v pocitaci.

Kyveta pro rozklad vody na povrchu tenkovrstvého materialu.
Dvoustupniovy redukéni ventil pro argon (nosny plyn), uréeny pro velmi Cisté plyny.

2. Plynovy chromatograf musi splfiovat nasledujici poZzadavky:

Vybaveni detektorem méficim tepelnou vodivost (TCD detektor).

Moznost kontroly pretlaku nosného plynu v Sirokém rozmezi (maximalni tlak nejméné
2 bar).

Moznost kontroly teploty v Sirokém rozmezi (maximailni teplota nejméné 400°C).
Moznost vyuzivat Ar jako nosny plyn.

3. Chromatograficka kolona musi splfovat nasledujici pozadavek:

PInéni molekulovym sitem umoznujicim oddéleni H, od v§ech plynu vyskytujicich se
ve vzduchu.

4. Kyveta pro rozklad vody musi splhovat nasledujici pozadavky

V kyveté musi byt mozné umistit vzorek o rozmérech 3x3 cm tak (i) aby povrch
vzorku mohl byt pokryt vodou a (ii) aby tento povrch mohl byt zvnéjsku ozarovan.

Plyn nad povrchem vody musi byt oddéleny od vnéjsi atmosféry; objem plynu musi
byt mozné ménit.

Z kyvety musi byt mozné odebrat vzorek plynu (fadové 1 cm®) a vstiiknout jej do
chromatografu.

S) Analyzator procesniho plynu

1. Analyzator procesniho plynu se musi skladat z nasledujicich ¢asti
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e Kvadrupélovy hmotnostni spektrometr (QMS) s rozsahem 1-100 amu
e Nerezova komora pro QMS (kompatibilita s UHV)

e Vstupni pfiruba pro komoru QMS (kompatibilni s UHV) se sadou vyménnych $térbin
(alespon o priméru 0,1 mm a 0,03 mm)

e Turbomolekularni vyvéva (Cerpaci rychlost alesport 60 I/s pro N;) pro diferencialni
¢erpani komory QMS

e Vhodna bezolejova predcerpavaci vyvéva pro turbomolekularni vyvévu

e Systém pro diferenciaini Cerpani prostoru mezi vstupni pfirubou se S$térbinou a
vstupni Stérbinou pro QMS

e lonizaéni prostor pro analyzovany plyn pied vstupni Stérbinou pro QMS pro dosazeni
dobrého vakuového propojeni mezi timto prostorem a depoziéni komorou a také pro
omezeni efektu signalu pozadi zpUsobeny zbytkovym plynem v komore QMS

¢ lonizaéni zdroj alespon se dvéma elektrodami

e lontovy detektor pracuijici na principu “Faraday cup”

e |ontovy detektor pracujici na principu elektronového nasobice
e Vhodna tlakova mérka pro komoru QMS

e Tlakova mérka (méfici tlak v depoziéni komore), elektropneumaticky ventil a
automaticka kontrolni jednotka zaruéujici bezpeéné uzavieni hlavniho vstupniho
otvoru v pripadé nahlého vzristu tlaku v depozi¢ni komore

e Vyhfivaci systém umozniujici vyhrati komory QMS na teplotu alespor 150 °C

e Vhodna ovladaci jednotka (jednotky) pro monitor, vyhfivaci systém, Cerpaci systém a
tlakové mérky

e Vhodny software (1 licence) pro ovladani monitoru naprasovaciho procesu, pro
ukladani a prezentaci namérenych dat

e Alespon Ctyfi (4) analogové vystupni signaly pro pfenos naméfenych dat k dalsim
systémuim

e VSechny potiebné kabely

2. Analyzator procesniho plynu musi splnit nasledujici detekéni limity
e Detekéni limit pro vodni paru (v Ar) méné nez 700 ppb
e Detekéni limit pro vodik (v Ar) méné nez 3500 ppb
e Detekéni limit pro kyslik, dusik a oxid uhli¢ity (v Ar) méné nez 150 ppb

T) Softwarové a hardwarové vybaveni pro pocitacové rizeni experimentu

e RozSifeni souCasného softwarového vybaveni zadavatele, kterym je vyvojové
prostfedi LabVIEW, o dvé (2) licence tohoto vyvojového prostiredi ve verzi
Professional. Software musi byt kompatibilni s OS Microsoft Windows, ktery je
souc¢asnym vybavenim zadavatele.
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e Dvé (2) PCI Express karty s fadiCem rozhrani GPIB, plné kompatibilni s vyvojovym
prostiedim LabVIEW.

e Jedna (1) PCl Express karta sradicem a s analyzatorem rozhranim GPIB, piné
kompatibilni s vyvojovym prostfedim LabVIEW.

e Propojovaci kabely pro rozhrani GPIB.

Dalsi pozadavky:
1. Spojovaci materiadl nezbytny ke kompletaci Zafizeni.

30



NK
(3 :

N

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ OP Vyzkum a vyvoj
INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOST! pro inovace

Priloha €. 4 zadavaci dokumentace — ¢ast B (Appendix 4 - Part B)

EQUIPMENT SPECIFICATIONS

The Bidder has to clearly demonstrate that they have met all the technical
requirements for the system listed below, e.g. by specifying the particular technical
parameters, the technical drawing or the manufacturer’s product identification.

The universal vacuum deposition system must minimally meet the following basic
technical requirements:

1. Base vacuum at least 5 x 10°Pa.

2. Deposition uniformity better than +/- 2.0 % over a 4" diameter wafer.

3. Deposition with simultaneous sputtering of all the targets (one with a HiPIMS Power
Supply, two with a bipolar Dual Magnetron Power Supply and one with a DC Power
Supply) at rotating, heated and RF biased substrates.

4. Accurate and reproducible setting of the substrate temperature (+5 °C) at simultaneous RF
biasing of the substrate holder.

5. Sustainment of constant process gas pressure in the deposition vacuum chamber using
two techniques:

e Downstream control - control of the system pumping speed through the gate valve
position at constant flow rates of process gases

e Upstream control - control of flow rates of process gases at constant system pumping
speed (constant gate position)

The required universal deposition system must have the following functions and must consist
of:

A) Main deposition chamber

1. Easily accessible cylindrical (65-61 cm or 22-24 inch inner diameter; 43-46 cm or 17-18
inch inner height)) ultra-high vacuum stainless steel deposition chamber for a sputter up
orientation (a copper or fluoroelastomer o-ring can be used as a seal)

2. Standard ports:

Four (4) operational ports for magnetrons, pumping system, substrate holder, load lock
system, pressure gauges, substrate holder shutter and venting valve

Additional ports:
3. One extra operational port for magnetron positioned in the centre of the bottom flange

4. One chamber viewport shielded against radiofrequency radiation and equipped with a
shutter

5. One multi-purpose port for a residual gas analyzer or a leak detector
6. Custom rectangular ports:
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e Two custom rectangular ports (inner width of 150 mm and height of 200 mm) located
on the opposite sides of the chamber in symmetrical positions (with respect to the
axis going through two magnetron targets and the central axis of the chamber)

e The upper edges of the untilted targets at least 60 mm above the lower sides of these
ports

e Grooves for the fluoroelastomer o-ring seal prepared in the process deposition
chamber (i.e., any flat flange can be used for these ports)

7. Stainless steel blind flanges for all unused chamber ports
8. One venting valve

9. Two sets of removable stainless steel chamber liners for protecting the interior wall of the
chamber

10. A hydraulic or electro-pneumatic system for manipulation of removable and heavy parts
of the system (e.g., with the top flange).

11. One spare top flange equipped with DN63CF port in the center of the flange.

B) Vacuum pumping system

1. A throttle/isolation gate valve (with a stepper motor enabling at least 1,000 positions)
between the turbomolecular pump and the main chamber equipped with an analogue
input/output signal

2. A wide-range turbomolecular pump (at least 1200 | s for N,) equipped with a magnetic
bearing at least for the high vacuum end of the pump

3. A fore-vacuum gauge equipped with an analogue output signal

4. An appropriate dry backing pump (with the pumping speed at least 7.5 | s for Ny, ultimate
pressure lower than 10 Pa) with an anti-suckback valve

C) Magnetron spufttering sources

1. Four confocal 2" or 5 cm UHV magnetron sputtering sources allowing operation in
balanced, unbalanced and magnetic material modes

2. Individual manual tilting mechanism for each magnetron
3. A gas ring, chimney, and pneumatic shutter for each magnetron

D) Circular magnetron with variable magnetic field

e Compatibility with 4" or 10 cm diameter sputtering targets
e UHV compatibility of the magnetron
o Direct water cooling of the sputtered target

e Accurate system for independent axial movement of inner and outer magnets inside
the magnetron head allowing to change the magnetron’s magnetic field shape and/or
strength whilst the magnetron is under vacuum
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External mounting of the magnetron (i.e., the magnetron head is directly connected to
the mounting flange without any prolongation part)

130 mm maximum magnetron depth (i.e., the distance between the target surface
and the inner side of the mounting flange)

E) Mass filter for clusters

1. The mass filter for clusters must consists of

Stainless steel filter's vacuum chamber (UHV compatibility; entrance and exit
mounting flanges compatible with DN150CF flange size)

lon optic (UHV compatibility) to focus the cluster beam at the filter entrance

Guiding ion optic (UHV compatibility) to guide the filtered cluster beam towards the
substrate

Focusing ion optic (UHV compatibility) at the end of the guiding ion optic in order to
control the focus point of the cluster beam

Turbomolecular pump (pumping speed at least 350 I/s for N,) for pumping of the
filter's chamber

Appropriate dry roughing pump for the turbomolecular pump (pumping speed at least
5 m®hour)

Appropriate low pressure gauge for pressure measurement in the filter's chamber
Gate valve for the exit of the filter's chamber ,

Appropriate power supplies for the mass filter and ion optics

Appropriate software to control the mass filter and ion optics

2. The mass filter for clusters must meet the following technical requirements

Minimum cluster mass at the filter exit lower than 50 amu
Maximum cluster mass at the filter exit higher than 20 millions amu
No electrically neutral clusters in the output cluster flux

Mass resolution + 3% or better

275 mm distance between the filter's exit mounting flange and the focusing ion optic’s
exit slit

F) Process gas pressure gauges

1. A precise capacitance gauge (range: 0.1 mbar) for the main chamber equipped with an
analogue output  signal

2. Low and high pressure gauges, or a full-range gauge for the main chamber equipped with
an analogue output signal

3. A protective (isolation) valve for the capacitance gauge
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G) Substrate holder

1
2.

3

A 4" or 10 cm substrate holder compatible with radiofrequency biasing
One standard 4" or 10 cm substrate carrier

Two custom 4" or 10 cm substrate carriers suitable to fix 1 x Si substrate (5x35x0.64mm),
1 x Si substrate (20x20x0.64mm), 1x stainless steel substrate (20x20x1mm), 1x glass
substrate (20x20x1mm), and a minimum of 5 Si substrates (10x10x0.64mm)

4. A continuous substrate carrier rotation system (up to 20 rpm)

5. A substrate carrier heating system (up to 850 °C) compatible with a working atmosphere
containing argon, oxygen and nitrogen gases at total pressure up to 5 Pa

6. Substrate carrier shutter (pneumatic)

7. Possibility of adjusting the target-to-substrate distance (at least between 50 and 100
mm).

H) Load lock system

1.

A low-volume chamber body for 4" or 10 cm substrate carriers equipped with a loading
door

. An isolation gate valve between the load lock and the main chamber
. An appropriate dry backing pump (an additional pump or shared pump with the main

deposition chamber)
An appropriate turbomolecular pump (at least 60 | s for N,)
A full-range gauge for the load lock system equipped with an analogue output signal

1) Process gas introduction

1.

5.

6.

Four independent gas inlets (Ar, O,, N,, one spare inlet) into the main deposition chamber
(i.e., no gas mixing outside the chamber)

An isolation pneumatic valve for each gas line

A mass flow meter and controller for each gas line (100 sccm for Ar and 50, 20, 10 sccm
for reactive gases) equipped with an analogue input/output signal

One standard reactive gas distributor that can be fixed, if need be, to one of the gas lines
inside the main chamber

Flexible stainless steel gas tubes for each gas line allowing introduction of the process
gas into any location in the chamber

Spare flow meter for each line (100, 50, 20 and 10 sccm)

J) Power supplies

1.

High Power Impulse Magnetron Sputtering (HiPIMS) Power Supply:
e Rectangular pulse shape
e 10 kW average power
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e Maximum pulse voltage at least -2 kV

e Maximum pulse current at least 1 kA

¢ Minimum repetition frequency lower than 50 Hz
e Maximum repetition frequency at least 500 Hz
¢ Minimum pulse length shorter than 20 ps

e Maximum pulse length at least 200 ps

e Synchronization signal for triggering

e Connector for an analogue control

2. Dual Magnetron Power Supply:

e 10 kW total average power (5 kW for each magnetron + independent power control
for each magnetron)

e Maximum pulse voltage at least -800 V

e Maximum pulse current at least 15 A

e Minimum repetition frequency 0 kHz (DC mode)
e Maximum repetition frequency at least 350 kHz

e Maximum ignition voltage at least -1500 V

e Minimum duty cycle at 350 kHz lower than 15 %
e Maximum duty cycle at 350 kHz at least 45 %

e Synchronization signal for triggering (if possible)
e Connector for an analog control

3. DC power supply:
¢ Maximum voltage at least -1000V
e Maximum current at least 1A
e Connector for an analogue control

4. Two (2) appropriate RF bias power supplies with two (2) appropriate matchboxes:

e Sufficient power (at least 100 W) to reach at least -300 V of the substrate bias voltage
at 0.5 Pa of Ar gas

e Connector for an analogue control

K) Electrical probes

1. One high-current probe + current probe amplifier (if necessary)
e Atleast 15 MHz bandwidth
e Atleast 150 A DC (continuous) current
e Atleast 500 A peak current
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e BNC output

2. Four standard current probes + current probe amplifiers (if necessary)
e Atleast 100 MHz bandwidth
e Atleast 30 A DC (continuous) current
e Atleast 50 A peak current
e BNC output

3. One high voltage probe for a standard 1 MQ BNC oscilloscope input
e At least 250 MHz bandwidth
e 100:1 attenuation ratio
e -4 kV maximum voltage

4. Three standard voltage probes for a standard 1 MQ BNC oscilloscope input
e At least 200 MHz bandwidth
e 100:1 attenuation ratio
e -1.5 kV maximum voltage
e Atleast 2 m cable length

L) USB Oscilloscope with software (1 license)

e USB connection

e Four BNC inputs + external trigger

e At least 350 MHz bandwidth

e At least 8 bit vertical resolution

e At least 32 MS buffer size

¢ Function generator and arbitrary waveform generator
e Spectrum analyser

e Serial bus decoding

M) Cooling system

1. A water-cooled closed-loop chiller for a maximum total average discharge power of at
least 4 kW.
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N) Control system

1. An appropriate personal computer (+ monitor) enabling full control of the deposition
system (including data processing, data saving and data visualization)

2. Reliable control units and software (1 license ) allowing:

Visual representation of the deposition system
Control of each power supply (DC, RF, HiPIMS, and dual magnetron power supply)

Reading and control of the process gas parameters (open/close valves, flow rate, set-
point flow rate, flow rate feedback)

Control of the position of the gate valve between the main chamber and the
turbomolecular pump

Display of the pressure gauge values and control pressure set points
Control of the shutter for each magnetron and the substrate holder
Control of the pumping system of the chamber

Control of the load-lock system

Control of rotation, heating, and biasing of the substrate holder
Control of the closed-loop chiller

Creating, storing and running the deposition processes of individual layers and
multilayers

Data logging of all important input and output parameters during the deposition
process (i.e., gas pressures, gas flow rates, shutter positions, all output values of
power supplies, rotation speed, bias voltage and temperature of substrates, and so
on)

Obtaining a supervisor account allowing unlimited manual control of the system

3. Possibility of individually disabling the following segments of the software without affecting
the remaining settings:

Control of the DC power supply

Control of the RF power supply

Control of the HIPIMS power supply
Control of the dual magnetron power supply

Control of process gas parameters (opening/closing valves, flow rate, set-point flow
rate, flow rate feedback)

Control of the gate valve position

O) Coating thickness monitor

1. Quartz crystal thickness monitor system
2. A minimum of 30 additional crystals -
3. All necessary accessories, including a crystal position jig
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P) System for optical emission spectroscopy with temporal and spatial resolution
(OES system)

1. Imaging spectrograph with one input and two outputs for imaging detectors

Minimal focal length of 750mm

Aperture of 75 mm or higher

Optimization for UV-VIS including purge port

Wavelength accuracy of 0.1nm of better

Motorized input and output slit with minimal width of 10um or narrower

Electronically controlled shutter unit at input port

Motorized selection of output

Fully staffed interchangeable turret for minimally 3 gratings installed in the
spectrograph (gratings: 3600g/mm optimization UV, 2400g/mm optimization UV-VIS
and 1800g/mm optimization VIS), motorized selection of grating

Next fully staffed interchangeable turret for minimally 3 gratings (gratings: 2400g/mm
optimization UV, 1200g/mm optimization UV-VIS and 600g/mm optimization VIS)

Motorized filter wheel with 5 positions minimally

2. Spectrograph with echelle grating and with output for square imaging detector

Simultaneous record of spectrum in the range of 220-850nm minimally without gaps
Aperture of 20mm or higher

Electronically controlled shutter unit at the input port

Spectral resolution (MAA) of 6000 minimally

3. Rectangular ICCD detector compatible with the imaging spectrograph output

Integrated image intensifier with 18mm diameter minimally, with more than 10 bit
control of gain, with the spectral range of 200-850nm minimally and with the quantum
efficiency in the range of 200-500nm of 10% minimally

Minimum optical gate width of 3ns or shorter

CCD chip for spectroscopic use with the active area dimension of 690x250 pixels
minimally

16 bit digitization of the signal from the CCD chip

Integrated delay generator with the range from 0.1ns maximally to 1s minimally and
with the step of 0.1ns or shorter

Cooling of the CCD chip to temperature of -30°C or lower
Equivalent Background lllumination of the detector of 0.3e/pixel/s maximally
Readout noise of the detector of 18e” maximally

4. Square intensified EMCCD (emICCD) detector compatible with the echelle spectrograph
output and the imaging spectrograph output
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Integrated image intensifier with 18mm diameter minimally, with more than 10 bit
control of gain, with the spectral range of 200-850nm minimally and with the quantum
efficiency in the range of 500-850nm of 5% minimally

Minimum optical gate width of 50ns or shorter

EMCCD chip for spectroscopic use with the active area dimension of 950x950 pixels
minimally

16 bit digitization of the signal from the EMCCD chip

Integrated delay generator with the range from 0.1ns maximally to 1s minimally and
with the step of 0.1ns or shorter

Cooling of the EMCCD chip to temperature of -30°C or lower
Equivalent Background lllumination of the detector of 0.3e7/pixel/s maximally
Readout noise of the detector of 18e” maximally

5. System for spectral scanning with 2 photomultiplier housings compatible with the output
slit of the imaging spectrograph

6. Multi-channel UV-VIS-NIR (for wavelengths in the range of 200-850nm minimally)
solarization resistant optical fiber with the length of 5m

Three (3) separate optical channels, each channel consisting of 7 optical fibers with
the diameter of 200um

One end with separate channels with the length of 0.50-0.75m, each channel
terminated with the SMA connector

At the other end the individual fibers placed one on top of the other (ordered by
individual channels and with a gap between the channels) in the connector that is
compatible with the imaging spectrograph input

Aperture adaptation to the input of the imaging spectrograph

The fiber placed in a vacuum bushing (at the distance of 1.5-2.0m from the end with
the separate channels, i.e. from the end heading into vacuum)

7. Single-channel UV-VIS-NIR (for wavelengths in the range of 200-850nm minimally)
solarization resistant optical fiber with the length of 5m and the diameter of minimally
600um

The end heading into vacuum terminated by the SMA connector

The second end placed in the connector compatible with the echelle spectrograph
input
Aperture adaptation to the input of the echelle spectrograph

The fiber placed in a vacuum bushing (at the distance of 1.5-2.0m from the end
heading into vacuum)
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8. Software (1 license) for controlling of all individual parts of OES system including the
appropriate drivers for LabVIEW development environment which is current equipment of
customer. The software must be compatible with OS Microsoft Windows which is current
equipment of customer

9. Lamp (or lamps) for the wavelength calibration in the range of 200-850nm minimally and
radiometrically calibrated lamp (or lamps) for the relative calibration of the spectral
sensitivity in the range of 200-850nm minimally

10. Accessories needed for complete function of whole OES system

Adapters needed for installation of the detectors onto the spectrographs

Adapters for C-Mount lenses and F-Mount lenses for the imaging spectrograph input
and both the requested detectors

UV-VIS-NIR lens for C-Mount with a fixed focal length in the range of 25-35mm, f-
number of F/4 minimally and optimization in the wavelength range of 200-850nm
minimally

Set of band-pass filters with diameter of 50mm, with bandwidths of 3nm maximally
(FWHM) and with central wavelengths (in nm and in air): 374.9, 399.5, 434.9, 457.9,
463.1, 488.0, 744.2, 750.4, 777.4, 811.5, 821.6, 844.6. Reduction from the front
screw of the UV-VIS-NIR lens to the requested diameter of the band-pass filters

Minimally five (5) pieces of collimating lenses optimized in the wavelength range of
200-850nm minimally, with an input diameter in the range of 20-30mm and equipped
with the SMA connector at the output for fiber connection

Q) Langmuir probe system with temporal and spatial resolution (LP system)

1. Langmuir single probe for pulsed plasma

Probe length of 500+10mm
Air cooling of the probe

2. Langmuir double probe for pulsed plasma

Probe length of 500+10mm

Air cooling of the probe

3. Control unit compatible with both the Langmuir probes

Minimal time resolution of 15ns or shorter

One (1) synchronization input minimally

Probe voltage scan range from -150V to +150V or broader
Measurable probe current range from 20nA to 1A or broader
Measurable plasma density up to 1x10"3cm™ or higher

4. Automated linear drive system compatible with both the Langmuir probes
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e Drive length of 450£10mm
e Drive length resolution of 0.05mm or better

5. Control software (1 license ) for the LP system including drivers for LabVIEW development
environment which is current equipment of customer. The software must be compatible
with OS Microsoft Windows which is current equipment of customer

6. Accessories and replacement parts needed for complete function of whole LP system like
vacuum sealing, probe tips etc.

R) System for chromatographic measurements

1. The required system must consists of
e Gas chromatograph
e Packed chromatographic column

e Chromatographic datastation (including A/D transducer) allowing one to calculate
concentrations of measured gases and to save data in a computer

e Cell (cuvette) for water splitting on a surface of a thin-film material
e Two-stage clean-gas reducing valve for Ar (carrier gas)

2. The gas chromatograph has to fulffill the following requirements
e It has to be equipped by a thermal conductivity detector (TCD)

e It has to allow carrier gas pressure control in a wide range (max. pressure at least 2
bar)

e It has to allow temperature control in a wide range (max. temperature at least 400°C)
e It must be compatible with using Ar as carrier gas

3. The chromatographic column has to fulfill the following requirement
¢ Filling by a molecular sieve which allows to separate H, from all gases present in air

4. The cuvette for water splitting has to fulfill the following requirements

e It has to allow placing a 3x3 cm large sample inside the cuvette in such a way that (i)
the sample surface can be covered by water and (ii) the surface can be irradiated
from outside

e The gas above the water surface has to be separated from the outside atmosphere; it
must be possible to vary the gas volume

e It must be possible to take a sample of the gas (in the order of 1 cm®) from the cuvette
and to inject it into the chromatograph

S) Process gas analyzer

1. The process gas analyzer must consists of
e Quadrupole mass spectrometer (QMS) with mass range 1 - 100 amu

41



N % C:
[\’ ' - EVROPSKA UNIE ® 2007-13

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vyvoj
INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI pro inovace

Stainless steel chamber for the QMS (UHV compatibility)

Entrance flange for the QMS chamber (UHV compatibility) with set of exchangeable
orifices (at least 0.1 mm and 0.03 mm in diameter)

Turbomolecular pump (pumping speed at least 60 /s for N,) for differential pumping
of the QMS chamber

Appropriate dry backing pump for the turbomolecular pump

System for differential pumping of the space between the entrance flange with the
orifice and the entrance orifice for the QMS

lonization space for the analyzed gas in front of the orifice for the QMS in order to
facilitate a good vacuum contact of this space with the deposition chamber and also
to reduce the effect of the residual gas background signal from the QMS chamber

lonization source equipped with at least two cathodes
Faraday cup ion detector

Electron multiplier ion detector

Appropriate total pressure gauge for the QMS chamber

Pressure gauge (measuring pressure in the deposition chamber), electropneumatic
gate valve and automatic control unit ensuring safe closure of the main port of the
analyzer in the case of an excessive pressure in the deposition chamber

Heating system allowing to bake the QMS chamber at least up to 150 °C

Appropriate control unit (units) for the process gas analyzer, heating system, pumping
system and pressure gauges

Appropriate software (1 license ) for controlling the process gas analyzer, for storage
and showing measurement data

At least four (4) analog outputs suitable for transfer of measured data to other
systems

All necessary cables

2. The process gas analyzer must meet the following detection limits

Detection limit for water vapour (in Ar) lower than 700 ppb
Detection limit for hydrogen (in Ar) lower than 3500 ppb
Detection limit for oxygen, nitrogen and carbon dioxide (in Ar) lower than 150 ppb

T) Software and hardware equipment for computer control of experiments

An extension of the current software equipment of customer, which is LabVIEW
development environment, by two (2) licenses of the development environment in
Professional version. The software must be compatible with OS Microsoft Windows
which is current equipment of customer
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e Two (2) PCI Express cards with a controller of GPIB interface, fully compatible with
LabVIEW development environment

e One (1) PCIl Express card with a controller and with an analyzer of GPIB interface,
fully compatible with LabVIEW development environment

e Connecting cables for GPIB interface

Additional requirements
1. Necessary interconnecting plumbing and hardware
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Priloha ¢. 5 zadavaci dokumentace

KUPNi SMLOUVA NA DODAVKU
UNIVERZALNIHO MULTIFUNKCNIHO
DEPOZICNIHO ZARIZENI S
DIAGNOSTIKAMI
PRO PROJEKT NTIS

uzaviena podle ustanoveni § 409 a nsl. zakona &. 513/1991 Sb., obchodniho
zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisti

Smluvni strany:

Zapadoceska univerzita v Plzni

se sidlem: Univerzitni 8, 306 14 Plzen
IC: 49777513
DIC: CZ49777513

osoba opravnéna jednat za zadavatele:  Doc. Ing. FrantiSek Vavra, CSc.,
dékan Fakulty aplikovanych véd,

z povéreni
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Plzefi-mésto
¢islo uctu: 4811530257/0100
na strané jedné jako kupujici (dale jen ,kupujici®)

a

[doplni uchazeé€ — nazev firmy]

se sidlem: [dopIni uchaze¢]
IC: [doplni uchazeg]
DIC: [doplni uchazeg]
jednajici/zastoupeny: [dopIni uchazeg]
Zapsany v [dopIni uchazec]
bankovni spojeni: [dopIni uchazeg]
¢islo uctu: [dopIni uchazed]

na strané druhé jako prodavajici (dale jen ,prodavajici®)

uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto kupni smlouvu (dale jen
,Smlouva®):
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I.  Uvodni ustanoveni

1. Tato kupni smlouva se uzavird na zakladé vysledku vefejné zakazky ,Dodavka

g

univerzalniho multifunk&niho depoziéniho zafizeni s diagnostikami pro projekt NTIS.
Nabidka prodavajiciho byla kupujicim jako zadavatelem vybrana jako nejvhodné&;si.

II. Predmét smlouvy

Prodavajici se zavazuje dodat kupujicimu za podminek stanovenych touto smlouvou
jeden kus depoziéniho zafizeni pro fizenou pfipravu tenkovrstvych materiall s raznymi
diagnostikami skladajiciho se z nasledujicich ¢asti: Hlavni depoziéni komora (mezni tlak
10 Pa) o praméru 55 az 61 cm a vySce 43 az 46 cm, vakuovy Cerpaci systém, Ctyri
plazmové magnetronové zdroje (pramér terée 5 cm), jeden kruhovy magnetron (prumeér
terée 10 cm) s nastavitelnym magnetickym polem, hmotnostni filtr klastri, méfeni tlaku
pracovniho plynu, drzak substrati o priméru 10 cm s moznosti rotace, ohfevu do 850°C
a zaporného predpéti, systém pro vyménu vzorkd bez zavzdusnéni depozitni komory
(load-lock), pfivod pracovnich plynu pro nezavislé fizené napousténi az Ctyi' plynt do
depoziéni komory, Fizené elektrické zdroje pro cinnost vSech magnetront
(vysokovykonovy unipolarni pulzni zdroj, dudini pulzni zdroj s opakovaci frekvenci az 350
kHz pro dvojici magnetronl, stejnosmérny kontinualni zdroj a dva radiofrekvencni
zdroje), elektrické sondy pro méfeni napéti a proudu elektrickych zdroji s USB
osciloskopem, chladici systém a fidici systém depozi€ni aparatury. Dale jsou soucasti
zafizeni nasledujici systémy pro diagnostiku vybojového plazmatu a tenkovrstvych
materialll b&hem jejich vytvareni a pocitatové fizeni experimentl: Monitor tloustky
rostouci vrstvy, systém pro Casové a prostorové rozliSenou optickou emisni
spektroskopii, systém Langmuirovy sondy s prostorovym a asovym rozliSenim, systém
pro chromatografickd méfeni, analyzator procesniho plynu a softwarové a hardwarové
vybaveni pro pocitatové fizeni experimentd (dale téz ,Zafizeni‘). Podrobna specifikace
pfedmétu plnéni je uvedena v piiloze €. 1 této smlouvy: Technické parametry Zarizeni.

Nedilnou souéasti plnéni z této smlouvy je dodani pfedmétu plnéni do mista pinéni,
instalace a montaz, kalibrace a uvedeni do provozu vcetné provéieni bezchybné
funkénosti, dodani technické dokumentace a uzivatelskych pfiru¢ek (v Eeském nebo
anglickém jazyce, v listinné nebo elektronické podobé), predvedeni v8ech obligatorné
pozadovanych funkci a parametri. Na dodaném predmétu pinéni provede prodavajici
za$koleni obsluhy kupujiciho v rozsahu 8 (osmi) hodin pro 2 (dvé) osoby (obsahovou
naplini bude zvladnuti obsluhy pfredmétu pinéni, vSech jeho soucasti a softwaru).

Piedmét této smlouvy musi byt novy, plné funkéni, kompletni a musi byt vybaven
pinohodnotnym softwarem, véetné poctu licenci specifikovaného v pfiloze €. 1 této
smlouvy tak, aby bylo mozné jeho pIné vyuziti (pfi zajisténi vzajemné kompatibility SW a
HW).

Kupujici se zavazuje dodany prfedmét plnéni prevzit a uhradit prodavajicimu cenu
stanovenou v této smlouvé za podminek ve smlouvé uvedenych.

Prodavajici se zavazuje dodat kupujicimu predmét této smlouvy specifikovany v pfiloze
& 1 smlouvy a dale se prodavajici zavazuje prevést na kupujiciho vlastnické pravo
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k predmétu plnéni. Prodavajici vyslovné prohlasuje, Zze Zafizeni splfiuje pozadavky
kupujiciho uvedené v této smiouvé.

lll. Cena a platebni podminky

1. Kupni cena vychazi z cenové nabidky prodavajiciho, kalkulované v ramci zadavaciho
fizeni na predmét plnéni této smlouvy.

2. Kupni cena (nebo jeji ¢ast) bude uhrazena kupujicim prodavajicimu po prevzeti
predmétu pinéni (nebo jeho ¢asti) a podpisu protokolu o Ffadném dodani a zavéreéného
protokolu o uvedeni Zafizeni do provozu povérenymi zastupci obou smluvnich stran.

A: Zahranicéni

3. Kupni cena za plnéni pfedmétu této smlouvy ¢ini [doplni uchaze¢] K& bez DPH, (slovy:
[doplni uchaze€] korun ¢eskych). DPH v zakonné vysi uhradi kupujici.

[B: Prodavaijici z Ceské republiky']

3. Kupni cena za pInéni predmétu této smlouvy &ini [dopini uchaze¢] K& bez DPH (slovy:
[doplni uchaze€] korun Eeskych), sazba DPH [doplni uchaze€] %, celkova DPH [dopIni
uchazeé] K¢ a celkova cena [doplni uchazec] K¢ véetné DPH, (slovy: [doplni uchazed]
korun ¢eskych).

4. Kupni cena za plnéni pfedmétu smlouvy je stanovena jako nejvySe pfipustna, maximalni
a neprekroditelna cena vcetné vSech poplatku a veskerych dalSich nakladi spojenych
s plnénim predmétu smlouvy (napf. dopravné, skladné, schvalovaci fizeni, provedeni
predepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatl a atestu, prfevod
prav, pojisténi apod.). Prodavajici neni opravnén uctovat zadné dalSi ¢astky v souvislosti
s pInénim této smlouvy.

5. Cenu je mozné prekrocit pouze v souvislosti se zménou dafovych predpist tykajicich
se DPH.

6. Cena za pInéni predmétu smlouvy bude kupujicim uhrazena v K¢ (korunach éeskych), a
to na zakladé danového dokladu — faktury, vystavené prodavajicim do 15 dnu ode dne
rozhodného okamziku uvedeného nize u jednotlivych plateb.

7. Kupni cena za dodavku zafizeni bude uhrazena v 5 dil€ich platbach:

1. platba ve vysi 40 % z celkové kupni ceny bez DPH po podpisu této smlouvy
opravnénymi zastupci obou stran proti dokumentim:
— zalohova faktura (jeden original a jedna kopie),

—  jeden original kupni smlouvy podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

! Prodavajici si vybere jednu z alternativ, a to bud alternativu A nebo alternativu B, kterou ponechd v ndvrhu
smlouvy, nezvolenou alternativu ze smlouvy vypusti.
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2. platba ve vysi 20 % z celkové kupni ceny bez DPH po radném dodani systému OES
(viz polozka P v pfiloze ¢. 1 této smlouvy) kupujicimu na misto pInéni proti
dokumentim:

— faktura (jeden origindl a jedna kopie),

— jeden original protokolu o fadném dodani systému OES kupujicimu na misto
plnéni podepsany povérenymi zastupci obou smluvnich stran.

3. platba ve vysi 10 % z celkové kupni ceny bez DPH po fadném dodani hmotnostniho
filtru klastrll a analyzatoru procesniho plynu (viz polozka E a S v pfiloze €. 1 této
smlouvy) kupujicimu na misto plnéni proti dokumentim:

— faktura (jeden original a jedna kopie),

— jeden original protokolu o fadném dodani hmotnostniho filtru klastri a analyzatoru
procesniho plynu kupujicimu na misto plnéni podepsany povéfenymi zastupci
obou smluvnich stran.

4. platba ve vysi 20 % z celkové kupni ceny bez DPH po fadném dodani zbyvajicich &asti
Zafizeni kupujicimu na misto plnéni proti dokumentim:
— faktura (jeden original a jedna kopie),

— jeden original protokolu o radném dodani zbyvajicich ¢asti Zafizeni kupujicimu na
misto plnéni podepsany povérenymi zastupci obou smluvnich stran.

5. platba ve vysi 10 % z celkové kupni ceny bez DPH po montazi Zafizeni na misté
plnéni, uvedeni Zafizeni do provozu v¢. predvedeni veskerych pozadovanych funkci
a parametrl, provedeni zaskoleni pfislusnych pracovniki/€lent obsluhy Zafizeni
kupuijiciho, vée v rozsahu uvedeném v ¢l. Il. této smlouvy proti dokumentim:
— faktura (jeden original a jedna kopie),

— jeden original zavére¢ného protokolu o uvedeni dodaného Zafizeni do provozu
a jeden original protokolu o zaskoleni ¢lend obsluhy, oba protokoly podepsané
povéienymi zastupci obou smiuvnich stran.

8. Splatnost faktury je 30 dnu ode dne prokazatelného doru€eni faktury kupujicimu.
Kupujici si vSak vyhrazuje pravo jednostranné prodlouzit IhGtu splatnosti danového
dokladu dle moznosti financ¢nich prostiedkl uvolfiovanych z Opera¢niho programu
Vyzkum a vyvoj pro inovace (dale OP VaVpl) az o 30 kalendainich dni. Takové pozdni
pridéleni finanénich prostfedkl z OP VaVpl nezaklada prodleni kupujiciho s hrazenim
kupni ceny.

9. Danovy doklad — faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného ucetniho
a danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpist, zejména, nikoliv v§ak
vyluéné, zakona ¢. 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu. V pfipadé, Zze faktura nebude mit odpovidajici nalezZitosti, je kupujici opravnén
ji vratit ve Ihaté splatnosti zpét prodavajicimu k dopInéni, aniz se tak dostane do prodleni
se splatnosti. Lhuta splatnosti pocina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité

dopinéného &i opraveného dokladu.
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IV. Misto pInéni, prevzeti zafizeni

Prodavajici se zavazuje dodat predmét pinéni (véetné montaze atd.) do mista pinéni,
kterym je Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitni 22, Plzen, a to v pracovni dobé
kupuijiciho, tj. v pracovni dny od 8.00 do 16.00 hod., nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak.

O predani a prevzeti predmétu pinéni, jeho jednotlivych ¢asti uvedenych v €l. 111.7 této
smlouvy, budou sepsany protokoly o fadném dodani a zavére¢ny protokol o uvedeni
Zafizeni do provozu, které budou podepsany povérenymi zastupci obou smiluvnich stran.
Kupujici neni povinen prevzit Zarizeni vykazujici jakékoliv vady ¢i nedodélky. Prodavajici
je povinen pfi predani predmétu pinéni, resp. jeho jednotlivé &asti, pfedat kupujicimu
rovnéz doklady potfebné k prevzeti a uzivani Zafizeni a jejich pfedani je podminkou
prevzeti Zafizeni kupujicim.

V. Doba plnéni

Prodavajici se zavazuje zahgjit pinéni predmétu této smlouvy ode dne uzavieni smlouvy
a ukondit jej nejpozdéji do 28 tydnu od uzavieni smlouvy, z toho dodani systému OES
(viz polozka P v piiloze €. 1 této smlouvy) do 25 tydnl od uzavieni smlouvy a dodani
hmotnostniho filtru klastri a analyzatoru procesniho plynu (viz poloZzka E a S v pfiloze €.
1 této smlouvy) do 27 tydnl od uzavieni smlouvy.

Prechod vlastnického prava a nebezpeci skody na zarizeni

Vlastnické pravo k Zafizeni, resp. jeho jednotlivym &astem specifikovanych v €l. 111.7 této
smlouvy, prfechazi na kupujiciho dnem fadného predani a prevzeti Zafizeni &i jeho
jednotlivych ¢asti od prodavajiciho na zakladé podpisu protokolu o radném dodani i
zavérecného protokolu o uvedeni Zafizeni do provozu. Timto okamzZikem piechazi na
kupujiciho rovnéz nebezpeci Skody na Zafizeni, resp. jeho ¢asti.

VIl. Zaruka

Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost Zafizeni dodaného dle této smlouvy
v trvani 12 mésicu.

Zaruéni doba zacina bézet ode dne prevzeti pfedmétu pinéni, resp. jeho €asti, kupujicim
bez vad a nedodélku, tj. na zakladé podpisu protokolu o fadném dodani &i zavéreéného
protokolu o uvedeni Zafizeni do provozu mezi smluvnimi stranami.

Kupujici je povinen ohlasit vady prodavajicimu neprodlené poté, co je zjisti, a to
telefonicky nebo pisemné na adrese prodavajiciho: [doplni uchaze€]. | reklamace
odeslana kupujicim v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zaruéni opravy provede prodavajici bezplatné a bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji
vSak do 30 kalendarnich dnG ode dne uplatnéni reklamace, nebude-li mezi smluvnimi
stranami dohodnuto jinak. Bude-li to pfipoustét charakter vady, je prodavajici povinen
odstranit vadu v misté pinéni. V opaéném pripadé ji odstrani ve své provozovné. V této
souvislosti bere prodavajici na védomi, ze k odstranéni vad muze nastoupit v pracovni
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den v dobé od 8:00 hod do 16:00 hod, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto
jinak.
O odstranéni reklamované vady sepi§i smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi

odstranéni vady. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, ktera uplyne ode dne uplatnéni
reklamované vady do dne odstranéni vady.

VIll. Licenc¢ni ustanoveni

Prodavajici poskytuje kupujicimu nevyhradni, ¢asové a mistné neomezené licence
k dodavanému software uvedené v pfiloze ¢. 1 této smlouvy. Odména za poskytnuti
licenci je zahrnuta do ceny pfedmétu pinéni uvedené v &l. Ill této smlouvy.

Prodavajici zaruéuje, ze na dodaném predmétu smlouvy nevaznou prava tietich osob
branici uzavieni této smlouvy a fadnému uzivani predmétu smlouvy kupujicim, zejména
prava vyplyvajici z primyslového vlastnictvi.

Prodavaijici prohlasuje, Ze je opravnén tuto smlouvu uzavfit bez jakychkoliv omezeni ze
strany tfetich fyzickych a pravnickych osob. Prodavajici prohladuje, Ze pfedmeét smlouvy,
véetné dodavaného software, neni zatizen jakymikoli pravy tretich osob ve smyslu
zakona & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu a jinych pravnich
predpisu. V pfipadé, Zze by kdokoli omezoval prava kupujiciho zaloZzena touto smlouvou
nebo mu branil v jejich fadném vykonu, prodavajici se zavazuje na viastni naklady

takovému jednani zabranit a uhradit kupujicimu vzniklou Skodu.

IX. Ukonéeni smlouvy

Tato smlouva muze byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran;
b) odstoupenim od smlouvy z diivod(i stanovenych ve smlouvé nebo zakonem.

Od smlouvy muze smiuvni strana odstoupit pro podstatné poruSeni smiuvni povinnosti
druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti se zejména povazuje:

a) na strané kupujiciho nezaplaceni kupni ceny podle této smlouvy ve Ihaté deli 60 dni
po dni splatnosti pfislusné faktury,

b) na strané prodavajiciho, jestlize Zarizeni (nebo jeho &ast), nebude Ffadné dodana
v dohodnutém terminu tak, aby prodavajicimu vzniklo pravo na Uhradu kupni ceny
(nebo jeji ¢asti) vystavenim pfislusné faktury,

c) na strané prodavajiciho, jestlize Zafizeni nebude mit viastnosti deklarovane
prodavajicim ve smlouve,

d) na strané prodavajiciho, jestlize ve své nabidce vramci vefejné zakazky, ktera
pfedchazela uzavieni této smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni.

V pfipadé poruseni dal$ich smluvnich povinnosti (jako je zejména fadné provedeni
zaruénich oprav), je druha strana opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze strana,

ktera je v prodleni, nesplni svou povinnost ani v dodate¢né pfiméfené Ihaté, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.
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Odstoupeni od smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné, bez zbyte¢ného odkladu
poté, co se o poruseni dovédéla.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat své vzajemné
zavazky a pohledavky stanovené v zakoné nebo ve smlouvé, a to do 30 dnl od pravnich
ucinku odstoupeni, nebo v dohodnuté Ihuté.

X. Sankcéni ustanoveni

.V pfipadé prodleni prodavajiciho se spinénim jeho zavazku ze smlouvy, pfedevsim
bude-li prodavajici v prodleni s terminem dodani Zafizeni (véetné montaze atd.), resp.
jednotlivych &asti, tzn. nedoda-li prodavajici Zafizeni ¢&i jeho casti ve stanovené Ihuté, je
prodavajici povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z kupni ceny za
predmétnou ¢ast Zarizeni za kazdy zapo€aty den prodleni.

. V pfipadé prodleni kupujiciho s Ghradou faktury (i za diléi pInéni), je prodavajici
opravnén uplatnit viéi kupujicimu smluvni trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky
za kazdy zapocaty den prodleni s uhradou faktury.

.V pfipadé nedodrZeni uvedené (&i jinak dohodnuté) Ihity pro provedeni zaruéni opravy,
je prodavajici povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 0,06% z celkové kupni
ceny za kazdy jednotlivy pfipad a zapo¢aty den prodieni.

Strana povinna musi uhradit strané opravnéné smluvni sankce (smluvni pokuty)
nejpozdéji do 15 kalendarnich dni ode dne obdrzeni prislusného vyuétovani od druhé
smluvni strany.

. Zaplacenim smluvnich sankci dle této smlouvy neni dotéen narok smiuvni strany na
nahradu vzniklé skody zplsobené porusenim povinnosti druhou smiuvni stranou, na niz
se sankce vztahuje

Kupuijici je opravnén zapodist jakoukoli smluvni pokutu, kterou je povinen uhradit
prodavajici, proti fakturované €astce.

XI. Ostatni ustanoveni

Prodavajici bere na védomi, Zze podle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu
finanéni kontroly. Ridici organ Operaéniho programu VaVpl bude mit v ramci kontroly
pravo pristupu, a to po dobu 3 let od ukonéeni operaéniho programu, k t&ém &astem
nabidky, smlouvy a souvisejicich dokumentu, které podiéhaji ochrané podle zviastnich
pravnich predpisi (napf. jako obchodni tajemstvi, utajované skuteCnost) za
predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi piedpisy (napf. § 11 pism.
c) ad), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢. 552/1991 Sb., o statni kontrole, v platném znéni).
Ridici organ operaéniho programu VaVpl je opravnén obdobnym zpisobem kontrolovat i
pfipadné subdodavatele prodavajiciho (viz pfiloha ¢. 2 pfirucek pro Zadatele a pfijemce
OP VaVpl - Pravidla pro vybér dodavatell (viz http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-priiemce-op-vavpi-3)).

Prodavajici je povinen radné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
pfedmétu pinéni véetné Gcetnictvi minimalné po dobu 3 let od ukonéeni OP VaVpl, tj.
nejméné do roku 2021. Ve stejné |hité je prodavajici povinen poskytovat poZzadované
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informace a dokumentaci zmocnéncim povérenych organu kontroly provadéni projektu
v ramci OP VaVpl a je povinen vytvorit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Xll. Komunikace

1. Veskera sdéleni &i jina jednani smluvnich stran podle této smlouvy budou adresovany
nize uvedenym zastupcum smluvnich stran a to v éeském nebo anglickém jazyce.

2. Pokud tato smlouva vyzaduje pro urcité sdéleni ¢i jiné jednani smluvnich stran pisemnou
formu, bude takové sdéleni zaslano prostrednictvim poskytovatele postovnich sluzeb
na adresu sidla pfisluéné smiuvni strany k rukdm zastupce této strany podle této
smiouvy.

3. Vyzaduje-li tato smlouva, aby uréité sdéleni &i jiné jednani smluvnich stran bylo ucinéno
pisemné v uréité |haté, je tato Ihuta zachovana, pokud je sdéleni nebo ukon doruceno
elektronicky na e-mail zastupce druhé smiluvni strany podle této smlouvy, je-li nasledné
do tfi dnu toto sdéleni &i jiné jednani zaslano prostrednictvim poskytovatele poStovnich
sluzeb na adresu sidla pfislusné smluvni strany.

4. Zastupci stran
Zastupce prodavajiciho

Prodavajici prohlasuje, Zze povéfil nize uvedenou osobu k jednani svym
jménem ve vécech souvisejicich s realizaci této smlouvy:

Jméno: [dopini uchazeg]
E-mail: [doplni uchazeg]
Tel.: [dopIni uchazeg]

Zastupce kupujiciho

Kupuijici prohlasuje, Zze povéfil nize uvedenou osobu k jednani svym
jménem ve vécech souvisejicich s realizaci této smlouvy:

Jméno: Ing. Jifi Capek, Ph.D.
E-mail: jcapek@kfy.zcu.cz
Tel.: +420 377 632 223.

5. Tito zastupci véak nejsou opravnéni k podpisu jakéhokoli dodatku k této smlouve.
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XIll. Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se fidi ¢eskym pravem. Otazky v této smlouvé neupravené se fidi
pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist. Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy nebo v souvislosti s ni bude
spadat do soudni pravomoci ¢eského soudu mistné prislusného dle sidla kupujiciho.

2. Smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich s platnosti originélu, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

3. Smlouvu Ize ménit &i doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné a souvisle Cislovanymi
dodatky podepsanymi ob&éma smluvnimi stranami.

4. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy:

Priloha €. 1: Technické parametry Zafizeni
Priloha ¢. 2: Povéreni dékana Fakulta aplikovanych véd Zapadoceské univerzity
v Plzni jednat jménem verejné vysoké Skoly.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy fadné precetly, souhlasi s jejim obsahem a
na dikaz toho obé& smluvni strany pfipojuji své podpisy.

V [doplni uchazed] dne [dopini uchazec] Vo AINE ... s - o i ino i w0
za prodavajiciho za kupuijiciho
[doplIni uchazeg] Doc. Ing. FrantiSek Vavra, CSc.,

dékan Fakulty aplikovanych véd
z povéieni

52



NEK
| 4 ~ .
!.\" ! ' - EVROPSKA UNIE ° 2007-13
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ OP V§zkum a vivoj
INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI pro inovace

Priloha €. 1 kupni smlouvy

TECHNICKE PARAMETRY ZARIZENI

Zarizeni spliuje nasledujici minimalni zakladni parametry:

1. Mezni tlak vakuové komory alespori 5 x 10 Pa.
2. Depoziéni uniformita (rovnomérnost) vrstev lepsi nez +/- 2.0 % na plo$e o praméru 10 cm.
3. MozZnost depozice (naprasovani) ze vSech ¢ty magnetronti najednou (jeden magnetron
napajeny z vysokovykonného pulzniho zdroje, dva z dualniho zdroje a jeden ze
stejnosmérného zdroje), za souc¢asné rotace, vyhfivani a RF predpéti vzorku.
4. Presné a reprodukovatelné nastaveni teploty vzorki (5 °C) za soucasného
radiofrekvenéniho predpéti vzorku.
5. Udrzeni (stabilizace) konstantniho tlaku pracovnich plyni ve vakuové komofe za pouZziti
nasledujicich technik:
e regulace Cerpaci rychlosti vakuového systému pomoci fizeni pozice deskového
ventilu pfi konstantnim pratoku pracovnich plyn (Downstream control);
e regulace prutokll pracovnich plyni pfi konstantni €erpaci rychlosti systému
(neménna pozice deskového ventilu) (Upstream control).

Zarizeni se sklada z nize uvedenych ¢asti a umoznuje minimalné nasledujici
funkce:
A) Hlavni depozi¢ni (naprasovaci) komora

1. Snadno pfistupna valcovita (vnitini primér 55-61 cm nebo 22-24 inch; vnitini vySka 43-46
cm nebo 17-18 inch) ultra-vysokovakuova depoziéni komora z nerezové oceli, dobie
pristupna ze v$ech stran a vhodna pro naprasovani smérem nahoru [pro té€snéni pfirub je
mozné pouzit médéné nebo gumové tésnéni (napr. fluorokauéukové tésnéni).

2. Standardni otvory:
Ctyfi (4) otvory pro magnetrony, dale pro &erpaci systém, drzak substratd, systém pro
vyménu vzorkl (load lock systém), tlakové mérky, clonku drzaku substrati a
zavzdus$iiovaci ventil.

Dalsi otvory:
3. Jeden extra otvor pro magnetron umistény ve stfedu dolni pfiruby.

4. Jedno okénko do depozic¢ni komory zabezpecené proti Uniku radiofrekvenéniho zareni
z komory a kryté clonkou.

Jeden vicelcelovy otvor pro pfipojeni plynového analyzatoru nebo hledace netésnosti.
. Specialni otvory:

e Dva protilehlé pravouhlé otvory (vnitfni pramér 150 mm a vnitfni vySka 200 mm)
umisténé symetricky vzhledem k ose prochazejici skrz dva magnetronové tere a
vzhledem k centralni ose depozi¢ni komory.

e Horni hrana vzpifimeného magnetronu alespor 60 mm nad spodnim okrajem otvoru.
e Drazky pro tésnéni pfirub (napf. pro fluorokaucukové tésnéni) vyhloubené do

o o
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depoziéni komory, aby bylo mozné pouzit deskovou pfirubu bez drazky.

7. Zaslepné priruby pro vSechny nepouzité otvory.

8.
9.

Jeden zavzdusnovaci ventil.
Dvé sady vlioZzek do komory z nerezové oceli na ochranu stén komory.

10. Pomocny (napf. hydraulicky nebo elektropneumaticky) mechanismus pro manipulaci

s odnimatelnymi tézkymi ¢astmi komory (napf. s hornim vikem).

11. Jedna nahradni horni pfiruba s otvorem DNB3CF ve stfedu této pfiruby.

B) Vakuovy cerpaci systém

1.

Uzaviraci a $krtici deskovy ventil s krokovym motorem (alespori 1000 pozic) mezi
turbomolekularni vyvévou a hlavni depoziéni komorou vybaveny vstupnim/vystupnim
signalem.

Sirokorozsahova turbomolekularni vyvéva s erpaci rychlosti alespori 1200 | s (pro Ny) a
s magnetickym loZiskem alespon pro vysokovakuovy konec vyvévy.

Mérka pro méfeni tlaku na vystupu turbomolekularni vyvévy vybavena analogovym
vystupnim signalem.

Vhodna bezolejova mechanicka vyvéva (€erpaci rychlost alespori 7,5 | s” pro N,, mezni
tlak mensi nez 10 Pa) s ventilem proti zpétnému nasati.

C) Plazmové (naprasovaci) zdroje

1

2.
3.

Ctyfi konfokalni magnetrony (primér terée 2 inch nebo 5 cm) v ultra-vysokovakuovém
provedeni, které musi umoznit ¢innost ve vyvazeném i nevyvazeném moédu a rovnéz
praci s magnetickymi materialy.

Naklapéci mechanismus pro kazdy magnetron.

PrisluSenstvi pro napousténi plynu u terée (gas ring), ochrana terée pred kontaminaci
z jinych magnetront (magnetron chimney) a pneumaticka clona pro kazdy magnetron.

D) Kruhovy magnetron s nastavitelnym magnetickym polem

e Kompatibilita s naprasovacimi ter¢i o priméru 4" nebo 10 cm

e Kompatibilita magnetronu s UHV

e Primé vodni chlazeni rozprasovaného terce

e Piesny systém pro nezavisly axialni posuv vnitfnich a vnéjSich magnetu uvnitf
magnetronu umoziujici zménit tvar magnetického pole a/nebo jeho silu bez
zavzdusnéni naprasovaci komory

e Vnéjsi prichyceni magnetronu k naprasovaci komore (t.j. magnetron je piimo
prichycen k pfipeviiujici pfirubé bez jakékoli prodluzujici ¢asti)

e Maximalni hloubka magnetronu 130 mm (t.j., vzdalenost mezi povrchem tere a
vnitini stranou pfipevriujici pfiruby)
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E) Hmotnostni filtr klastra

1. Hmotnostni filtr klastri se musi skladat z nasledujicich ¢asti

e Nerezova komora filtru (kompatibilita s UHV; vstupni a vystupni montazni pfiruby
kompatibilni s pfirubou DN150CF)

¢ lontova optika pro fokusaci klastrového svazku pfi vstupu do filtru
e Vodici iontova optika pro vedeni vyfiltrovaného svazku klastri smérem k substratu

e Fokusaéni iontova optika na konci vodici iontové optiky pro ovladani fokusacniho
bodu klastrového svazku

e Turbomolekularni vyvéva (&erpaci rychlost alespori 350 I/s) pro &erpani filtrové
komory

e Vhodna bezolejova pred&erpavaci vyvéva pro turbomolekularni vyvévu (Cerpaci
rychlost alespof 5 m*hod.)

e Vhodna tlakova mérka pro nizké tlaky pro méreni uvnitf filtrové komory

e Deskovy ventil na vystupu filtrové komory

e Vhodné napéjeci zdroje pro klastrovy hmotnostni filtr a iontové optiky

¢ Vhodny software pro ovladani klastrového hmotnostniho filtru a iontovych optik

2. Hmotnostni filtr klastri musi splnit nasledujici technické poZadavky
¢ Minimalni hmotnost klastrii na vystupu filtru mensi nez 50 amu
e Maximalni hmotnost klastrii na vystupu filtru vétsi nez 20 miliont amu
e Zadné elektricky neutralni klastry ve vystupnim klastrovém svazku
e Hmotnostni rozliseni £ 3% nebo lepsi
e Vzdalenost mezi vystupni pfirubou filtru a stérbinou fokusaéni iontové optiky 275 mm

F) Méreni tlaku pracovniho plynu

1. Pfesna kapacitni mérka (s rozsahem 0,1 mbar) pro hlavni naprasovaci komoru
s analogovym vystupnim signalem.

2. Meérka pro nizké a vysoké vakuum nebo mérka s Sirokym rozsahem pro hlavni
napra$ovaci komoru vybavena analogovym vystupnim signalem

3. Ochranny uzaviraci ventil (1 ks) pro kapacitni mérku.

G) Drzak substratu

1. Drzak (1 ks) umozniujici uchyceni nosi¢e vzorkl (substrate carrier) o priméru 4 inch nebo
10 cm a pripojeni radiofrekvenéniho (RF) piedpéti.

2. Jeden standardni nosi¢ vzorkl (primér 4 inch nebo 10 cm)

3. Dva (2) specialni nosi¢e vzorku (primér 4 inch nebo 10 cm) vhodné k uchyceni 1 x
kfemikového vzorku (5x35x0.64mm), 1 x kfemikového vzorku (20x20x0.64mm), 1 x
kovového vzorku (20x20x1mm), 1 x sklenéného vzorku (20x20x1mm) a minimalné pét
(5) kfemikovych vzorkd (10x10x0.64mm).
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Systém plynulé rotace vzork( (a2 do 20 otaéek min™).

Systém ohievu vzorkl (nejméné do 850 °C) kompatibilni s pracovni atmosférou, ktera je
pfevazné tvorena plyny argonu, kysliku a dusiku o celkovém tlaku do 5 Pa.

Pneumatickd clona umozfiujici ochranu vzorkd pfipevnénych na nosii v hlavni
naprasovaci komore.

Moznost plynule nastavit vzdalenost vzork( od terée (alespori v rozmezi 50 az 100 mm).

H) Systém pro vyménu vzorku bez zavzdusnéni depozi¢ni komory (load lock)

1.

Pomocna vakuova komora umoziujici vyménu nosice vzorkl (substrate carrier)
o pruméru 4 inch nebo 10 cm.
Deskovy ventil mezi depozi¢éni komorou a komorou pro vyménu nosice vzorka.

Vhodna bezolejova mechanicka vyvéva (pfidavna vyvéva nebo vyvéva sdilena s hlavni
naprasovaci komorou).

Vhodna turbomolekularni vyvéva (alespori 60 | s™ pro Ny).

Mérka pro kontrolu tlaku v komofe pro vyménu nosic¢e vzorkl vybavena analogovym
vystupnim signalem.

1) Privod pracovnich plynu

1.

2,
3.

Ctyfi nezavislé vstupy pro plyny (Ar, O,, N, a jeden nahradni vstup) do hlavni depozi¢ni
komory (mixovani plynu mimo depozi¢ni komoru neni mozne).

Uzaviratelny pneumaticky ventil pro kazdy pfivod plynu.

Hmotnostni regulator pritoku (4 ks) a jeho ovladaé pro kazdy pfivod plynu (100 sccm pro

Ar a 50, 20, 10 sccm pro reaktivni plyny) vybavené analogovym vstupnim/vystupnim
signalem.

Jeden distributor plynu, ktery je mozné pfipojit k jednomu z pfivodl plynu.

Flexibilni trubicky (4 ks) (z nerezové oceli) pro kazdy pfivod plynu, které umozni privedeni
plynu do libovolného mista depozi¢ni komory.

Nahradni prutokomér pro kazdy privod plynu (100, 50, 20 a10 sccm)

J) Napajeci jednotky (elektrické zdroje)

1. Zdroj pro vysokovykonové pulzni magnetronové naprasovani (HiPIMS):

e Obdélnikovy tvar pulzu.

e Pramérny vykon 10 kW.

e Maximalni napéti v pulzu alespori -2 kV.

e Maximalni proud v pulzu alespon 1 KA.

e Minimaini opakovaci frekvence pulzi méné nez 50 Hz.
e Maximalni opakovaci frekvence pulzu alespori 500 Hz.
e Maximalni délka pulzu alespori 200 ps.
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e Minimalni délka pulzu méné nez 20 ps.
e Signal pro synchronizaci jinych zafizeni.
e Konektor pro analogovou kontrolu.

2. Zdroj pro dualni magnetronové naprasovani:

e Primérny vykon 10 kW (5 kW pro kazdy magnetron + nezavisla kontrola vykonu pro
kazdy magnetron).

e Maximalni napéti v pulzu alespon -800 V.

e Maximalni proud v pulzu alespori 15 A.

e Minimalni opakovaci frekvence pulzti 0 kHz (DC méd).
e Maximalni opakovaci frekvence pulzi alespor 350 kHz.
e Maximalni zapalné napéti alespor -1500 V.

e Minimalni stfida pfi 350 kHz mensi nez 15 %.

e Maximalni stfida pfi 350 kHz alespor 45 %.

e Signal pro synchronizaci jinych zafizeni (pokud mozno).
e Konektor pro analogovou kontrolu.

3. Zdroj pro stejnosmérné (DC) magnetronové naprasovani:
e Maximalni napéti alespori -1000 V.
e Maximalni proud alespon 1 A.
e Konektor pro analogovou kontrolu.

4. Dva (2) vhodné zdroje s ladicimi jednotkami pro radiofrekvenéni (RF) predpéti vzorku:

e Dostate¢ny vykon (alespori 100 W) pfi dosazeni piedpéti na vzorcich alespon -300 V
pri tlaku 0.5 Pa argonového plynu.

¢ Konektor pro analogovou kontrolu.

K) Elektrické sondy

1. Jedna vysokoproudova sonda + zesilova¢ pro proudovou sondu (pokud je nutny)
o Sitka pasma alespon 15 MHz
¢ Maximalni stejnosmérny proud alespon 150 A
e Maximalni proud v pulzu alespori 500 A
e BNC vystup
2. Ctyfi standardni proudové sondy + zesilovaée pro proudovou sondu (pokud jsou nutné)
o Sifka pasma alespor 100 MHz
e Maximalni stejnosmérny proud 30 A
e Maximalni proud v pulzu alespor 50 A
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BNC vystup

3. Jedna vysokonapét'ova sonda pro standardni vstup osciloskopu (1 MQ BNC)

Sitka pasma alespor 250 MHz
Délici pomér 100:1
Maximalni napéti -4 kV

4. Tfi standardni napétové sondy pro standardni vstup osciloskopu (1 MQ BNC)

Sitka pasma alespor 200 MHz
Délici pomér 100:1

Maximalni napéti -1.5 kV
Délka kabelu alespor 2 m

L) USB osciloskop s oviadacim programem (1 licence)

USB pripojeni k pocitaci

Ctyii vstupy BNC + externi synchronizaéni signal (trigger)
Sitka pasma alespor 350 MHz

Svislé rozliseni alespori 8 bitu

Vyrovnavaci pamét’ alespori 32 MS

Funkéni generator

Spektralni analyzator

Dekédovani sériové sbérnice

M) Chladici systém

1. Vodou chlazeny chladi¢ s uzavienym okruhem pro chlazeni depozi¢ni aparatury o vykonu
alespori 4 kW.

N) Ridici systém depoziéni aparatury

1. Osobni pocitaé s monitorem schopny pIné Fidit systém depozi€ni aparatury (vcetné
schopnosti zpracovani a uloZeni dat véetné vizualizace).

2. Spolehlivé ovladaci jednotky a software (1 licence pro osobni poéitac) umoznuijici:

Vizualni reprezentaci celého depoziéniho systému.
Ovladani kazdého napajeciho zdroje (DC, RF, HiPIMS, Dualni).

Zobrazovat a ovladat parametry pracovniho plynu (otevfit/zavfit ventily, aktualni
pratok, zpétna vazba prutoku).

Ovladani pozice deskového ventilu mezi depozi¢ni komorou a turbomolekularni
VYVEvou.
Zobrazeni aktualnich hodnot tlaku a nastavovani pozadovaného tlaku.
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Ovladani clony pro kazdy magnetron a drzak substratl.

Ovladani ¢erpaciho systému.

Ovladani systému pro vyménu vzorka.

Ovladani rotace, vytapéni a predpéti vzorku.

Ovladani chladiciho systému.

Vytvaret, ukladat a spoustét procedury pro pfipravu jednotlivych vrstev i multivrstev.

Ukladat v8echny dulezité vstupni a vystupni parametry béhem depozice (tlak, prutoky
plynt, pozice clon, véechny vystupni hodnoty napajecich zdroj, rychlost rotace,
predpéti a teplota vzorka, atd.).

Uzivatelsky Géet umoznujici neomezenou manualni kontrolu depoziéniho systému.

3. Moznost deaktivovat nasledujici ¢asti ovladaciho systému bez ovlivnéni zbyvajicich
nastaveni:

Ovladani stejnosmérného (DC) zdroje.

Ovladani radiofrekvenéniho (RF) zdroje.

Ovladani vysokovykonového pulzniho (HiPIMS) zdroje.
Ovladani zdroje pro dualni magnetronové naprasovani.

Ovladani parametri pracovniho plynu (oteviit/zavfit ventily, aktualni pritok, zpé&tna
vazba prutoku).

Ovladani pozice deskového ventilu.

O) Monitor tloustky rostouci vrstvy

1. Systém pro monitorovani tloustky vrstvy pomoci kfemennych krystalu.
2. Minimalné tricet (30) nahradnich krystalu.
3. Nezbytné pfislusenstvi zahrnujici pfipravek pro nastaveni polohy krystalu.

P) Systém pro ¢asové a prostorové rozliSenou optickou emisni spektroskopii (systém

OES)

1. Zobrazovaci spektrograf s jednim vstupem a dvéma vystupy pro zobrazovaci detektory

Minimalni ohniskova vzdalenost 750mm.
Apertura 75mm ¢&i vétsi.
Optimalizace pro UV-VIS véetné portu pro procistovani.

Presnost spektrografu v nastaveni vinové délky (wavelength accuracy) 0,17nm nebo
lepsi.

Motorizovana vstupni a vystupni §térbina s minimaini Sifkou 10um nebo uzsi.
Elektronicky fizena zatemnovaci jednotka na vstupu (shutter unit).
Motorizovana volba vystupu.
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PIné osazena vyménitelna hlava pro minimalné 3 mfizky instalovana ve spektrografu
(mfizky: 3600vr/mm optimalizace UV, 2400vr/mm optimalizace UV-VIS a 1800vr/mm
optimalizace VIS), motorizovana volba mfizky.

Dalsi plné osazena vyménna hlava pro minimalné 3 mfizky (mfizky: 2400vr/mm
optimalizace UV, 1200vr/mm optimalizace UV-VIS a 600vr/mm optimalizace VIS).

Motorizované kolo filtri s minimalné 5 pozicemi.

Spektrograf s echelle mfizkou a vystupem pro &tvercovy zobrazovaci detektor

Simultanni zaznam spektra v rozsahu minimalné 220-850nm bez mezer.
Apertura 20mm ¢i vétsi.

Elektronicky fizena zatemriovaci jednotka na vstupu (shutter unit).
Spektralni rozliSeni (MAA) minimalné 6000.

Obdélnikovy ICCD detektor kompatibilni s vystupem zobrazovaciho spektrografu

Integrovany zesilova¢ svétla s primérem minimalné 18mm, s vice nez 10 bitovym
fizenim zesileni, se spektralnim rozsahem minimalné 200-850nm a kvantovou
ucinnosti v oblasti 200-500nm minimainé 10%.

Minimalni rychlost optické zavérky 3ns nebo kratsi.

CCD ¢&ip pro spektroskopické pouziti s rozmérem aktivni oblasti minimalné 690x250
pixelu.

16 bitova digitalizace signalu z CCD ¢ipu.

Integrovany generator zpozdéni s rozsahem od maximalné 0,1ns do minimalné 1s a
s krokem po 0,1ns &i kratSim.

Chlazeni CCD ¢ipu na teplotou -30°C &i nizsi.
Equivalent Background lllumination detektoru maximalné 0,3e’/pixel/s.
Vycitaci Sum detektoru maximainé 18e.

Ctvercovy intenzifikovany EMCCD (emICCD) detektor kompatibilni s vystupem echelle
spektrografu a vystupem zobrazovaciho spektrografu

Integrovany zesilova¢ svétla s primérem minimalné 18mm, s vice nez 10 bitovym
fizenim zesileni, se spektralnim rozsahem minimainé 200-850nm a s kvantovou
u€innosti v oblasti 500-850nm minimalné 5%.

Minimalni rychlost optické zavérky 50ns nebo kratsi.

EMCCD ¢ip pro spektroskopické pouziti s rozmérem aktivni oblasti minimalné
950x950 pixeld.

16 bitova digitalizace signalu z EMCCD Géipu.
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Integrovany generator zpozdéni s rozsahem od maximalné 0,1ns do minimalné 1s a
s krokem po 0,1ns &i krat§im.

Chlazeni EMCCD ¢ipu na teplotou -30°C &i nizsi.

Equivalent Background lllumination detektoru maximainé 0,3e’/pixel/s.

Vyc¢itaci Sum detektoru maximalné 18e".
Systém pro skenovani spektra véetné 2 pouzder pro fotonasobi¢ kompatibilnich

s vystupni $térbinou zobrazovaciho spektrografu.

6. Vicekanalové UV-VIS-NIR (pro vinové délky v rozsahu minimalné 200-850nm) optické
vlakno odolné solarizaci o délce 5m

Tii (3) samostatné optické kanaly, kazdy kanal slozen ze 7 optickych viaken o
prameéru 200um.

Jeden konec s osamocenymi kandly o délce 0,50-0,75m, kazdy kanal ukoncen
konektorem SMA.

Na druhém konci jednotliva viakna umisténa pod sebou (uspoiadané po jednotlivych
kandlech a s mezerou mezi kanaly) vkonektoru kompatibilnim se vstupem
zobrazovaciho spektrografu.

Aperturni pfizplsobeni vstupu zobrazovaciho spektrografu.

Vlakno umisténé v prlichodce do vakua (ve vzdalenosti 1,5-2,0m od konce se
samostatnymi kanaly, tj. od konce sméfujiciho do vakua).

7. Jednokanalové UV-VIS-NIR (pro vinové délky v rozsahu minimainé 200-850nm) optické
vlakno odolné solarizaci o délce 5m a pruméru minimalné 600um

Konec smérujici do vakua opatien SMA konektorem.
Druhy konec umistén v konektoru kompatibilnim se vstupem echelle spektrografu.
Aperturni pfizpusobeni vstupu echelle spektrografu.

Vlakno umisténé v prichodce do vakua (ve vzdalenosti 1,5-2,0m od konce
smeérfujiciho do vakua).

8. Software (1 licence) pro fizeni v§ech jednotlivych ¢asti systému OES véetné pfislusnych
ovladacli pro vyvojové prostiedi LabVIEW, které je souGasnym vybavenim zadavatele.
Software musi byt kompatibilni s OS Microsoft Windows, ktery je sou€asnym vybavenim
zadavatele.

Lampa (¢i lampy) pro kalibraci vinové délky vrozsahu minimalné 200-850nm a

radiometricky kalibrovana lampa (&i lampy) pro relativni kalibraci spektraini citlivosti
v rozsahu minimainé 200-850nm.

10. Prislusenstvi nutné k piné funkci celého systému OES:

Adaptéry nutné pro instalace detektort na spektrografy.

Adaptéry pro C-Mount objektivy a F-Mount objektivy pro zobrazovaci spektrograf a
oba pozadované detektory.
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UV-VIS-NIR objektiv pro C-Mount s pevnou ohniskovou vzdalenosti v rozsahu 25-
35mm, svételnosti minimalné F/4 a optimalizaci v rozsahu vinovych délek minimalné
200-850nm.

Sada band-pass filtri o priméru 50mm, Sifce pasma (FWHM) maximalné 3nm a
centralnich vinovych délkach (v nm a ve vzduchu): 374,9; 399,5; 434,9; 457,9; 463,1;
488,0; 744,2; 750,4; 777,4; 811,5; 821,6; 844,6. Redukce z piedniho Sroubeni UV-
VIS-NIR objektivu na pozadovany primér band-pass filtru.

Minimalné pét (5) kusu kolimacénich cocek optimalizovanych pro rozsah vinovych
délek minimalné 200-850nm, se vstupnim prumérem vrozsahu 20-30mm a
opatienych na vystupu konektorem SMA pro pfipojeni optického viakna.

Q) Systém Langmuirovy sondy s prostorovym a ¢asovym rozliSenim (systém LP)

1

o

Langmuirova jednoducha sonda pro pulzni plazma

e Délka sondy 500+10mm.

e Vzduchové chlazeni sondy.

Langmuirova dvojita sonda pro pulzni plazma

e Délka sondy 500+10mm.

e Vzduchové chlazeni sondy.

Kontrolni jednotka kompatibilni s obéma Langmuirovymi sondami

¢ Nejmensi ¢asové rozliseni 15ns nebo kratsi.

¢ Minimalné jeden (1) synchronizaéni vstup.

¢ Rozsah nastavitelného napéti na sondé od -150V do +150V nebo Sirsi.
e Rozsah méreni proudu od 20nA do 1A nebo Sirsi.

o Méfitelna hustota plazmatu az 1:10"°cm™ nebo vétsi.

Automaticky linearni posuvny systém kompatibilni s obéma Langmuirovymi sondami
e Délka posuvu 450+10mm.

e Rozliseni posuvu 0,05mm nebo lepsi.

Ridici software (1 licence) pro systém LP véetné ovlada&l pro vyvojové prostiedi
LabVIEW, které je soucasnym vybavenim zadavatele. Software musi byt
kompatibilni s OS Microsoft Windows, ktery je sou¢asnym vybavenim zadavatele.

PrisluSenstvi a nahradni dily nutné k piné funkci celého systému LP jako jsou
vakuova tésnéni, hroty sond atd.

R) Systém pro chromatograficka méreni

1.

Pozadovany systém tvofi:
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¢ Plynovy chromatograf.
e Napliova chromatograficka kolona.

e Chromatograficka stanice (véetné A/D prevodniku) umoziujici vypoc€et koncentraci
meérenych. plynl a archivaci dat v pocitaéi.

e Kyveta pro rozklad vody na povrchu tenkovrstvého materialu.

e Dvoustupriovy redukéni ventil pro argon (nosny plyn), uréeny pro velmi Cisté plyny.
2. Plynovy chromatograf musi splfiovat nasledujici pozadavky:

e Vybaveni detektorem méricim tepelnou vodivost (TCD detektor).

e Moznost kontroly pretlaku nosného plynu v Sirokém rozmezi (maximalni tlak nejméné
2 bar).

e Moznost kontroly teploty v Sirokém rozmezi (maximaini teplota nejméné 400°C).
e Moznost vyuzivat Ar jako nosny plyn.
3. Chromatograficka kolona musi splfiovat nasledujici pozadavek:

¢ PInéni molekulovym sitem umoznujicim oddéleni H, od vSech plynu vyskytujicich se
ve vzduchu.

4. Kyveta pro rozklad vody musi splfiovat nasledujici pozadavky

e V kyveté musi byt mozné umistit vzorek o rozmérech 3x3 cm tak (i) aby povrch
vzorku mohl byt pokryt vodou a (ii) aby tento povrch mohl byt zvnéjSku ozafovan.

e Plyn nad povrchem vody musi byt oddéleny od vné&jsi atmosféry; objem plynu musi
byt mozné ménit.
e Z kyvety musi byt mozné odebrat vzorek plynu (fadové 1 cm® a vstfiknout jej do
chromatografu.
S) Analyzator procesniho plynu
1. Analyzator procesniho plynu se musi skladat z nasledujicich ¢asti
e Kvadrupélovy hmotnostni spektrometr (QMS) s rozsahem 1-100 amu
e Nerezova komora pro QMS (kompatibilita s UHV)

e Vstupni pfiruba pro komoru QMS (kompatibilni s UHV) se sadou vyménnych Stérbin
(alespori o priméru 0,1 mm a 0,03 mm)

e Turbomolekularni vyvéva (Cerpaci rychlost alespori 60 I/s pro N,) pro diferencialni
cerpani komory QMS

e Vhodna bezolejova pifedcerpavaci vyvéva pro turbomolekularni vyvévu

e Systém pro diferencialni Cerpani prostoru mezi vstupni pfirubou se S$térbinou a
vstupni stérbinou pro QMS

e |onizaéni prostor pro analyzovany plyn pfed vstupni Stérbinou pro QMS pro dosazeni
dobrého vakuového propojeni mezi timto prostorem a depoziéni komorou a také pro
omezeni efektu signalu pozadi zplsobeny zbytkovym plynem v komore QMS

e |onizaéni zdroj alespon se dvéma elektrodami
¢ |ontovy detektor pracujici na principu “Faraday cup”
¢ |ontovy detektor pracujici na principu elektronového nasobice
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Vhodna tlakova mérka pro komoru QMS

Tlakova mérka (méfici tlak v depoziéni komore), elektropneumaticky wventil a
automaticka kontrolni jednotka zaruéujici bezpeéné uzavieni hlavniho vstupniho
otvoru v pripadé nahlého vzrustu tlaku v depozi¢ni komore

Vyhftivaci systém umoznuijici vyhrati komory QMS na teplotu alespor 150 °C

Vhodna ovladaci jednotka (jednotky) pro monitor, vyhfivaci systém, éerpaci systém a
tlakové mérky

Vhodny software (1 licence) pro ovladani monitoru naprasovaciho procesu, pro
ukladani a prezentaci naméfenych dat

Alespon ¢tyfi (4) analogové vystupni signdly pro pfenos naméfenych dat k dal§im
systémim

VSechny potrebné kabely

2. Analyzator procesniho plynu musi spinit nasledujici detekéni limity

Detekéni limit pro vodni paru (v Ar) méné nez 700 ppb
Detekéni limit pro vodik (v Ar) méné nez 3500 ppb
Detekéni limit pro kyslik, dusik a oxid uhlicity (v Ar) méné nez 150 ppb

T) Softwarové a hardwarové vybaveni pro pocitacové fizeni experimentu

Rozsifeni soucasného softwarového vybaveni zadavatele, kterym je vyvojové
prostfedi LabVIEW, o dvé (2) licence tohoto vyvojového prostiedi ve verzi
Professional. Software musi byt kompatibilni s OS Microsoft Windows, ktery je
soucasnym vybavenim zadavatele.

Dvé (2) PCI Express karty s radi€em rozhrani GPIB, plné kompatibilni s vyvojovym
prostiedim LabVIEW.

Jedna (1) PCI Express karta s radiCem a s analyzatorem rozhranim GPIB, pIné
kompatibilni s vyvojovym prostiedim LabVIEW.

Propojovaci kabely pro rozhrani GPIB.
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Dalsi doplnky:
1. Spojovaci material nezbytny ke kompletaci Zarizeni.
Prodavajici vyslovné prohlasuje, Ze Zafizeni, které je pfedmétem kupni smlouvy, ma vyse

uvedené technické parametry a funkce a je shodné s nabidkou, kterou prodavajici podal ve
verejné zakazce, jez pfedchazela kupni smlouvé (viz bod 3.6.2 zadavaci dokumentace).

Dne [doplni uchazec]

[Obchodni firma + podpis opravnéné
osoby - doplni uchazed]
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(i) Statutem Zapadoceské univerzity v Plzni ze dne 20.12.2012 4 (iv) zak. ¢ 111/1998 Sb., o
vysokych skolach, ve znéni pozdéjsich predpisu, ’

ke dni 1 8. 2013

jméno: FRANTISEK piijmeni: VAVRA narozen dne: 22. dubna 1949, bytem: Alej Svobody
52, 323 00 Plzeii, funkce: dékan Fakulty aplikovanych véd, zaméstnance Zaipadoéeské
univerzity v Plzni, zejména k:

» zajisténi viech dkont souvisejicich s organizaci, koordinaci a vykonem dcinnosti pii
zadavani vefejnych zakazek ve smyslu zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkich, ve
znéni pozdéjsich predpist, v ramci Operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace,
projekt NTIS, CTPVV;

\%

k podpisu vSech pravnich tkond souvisejicich se zadavanim veiejnych zakizek ve smyslu
zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpisi, v ramci
Operacniho programu Vyzkum a Vyvoj pro inovace, projekt NTIS, CTPVV.

V Plzni, dne 17. &ervence 2013

Livedené poveéfeni pryjimam:

doc. Ing. Franti§ek Vavra, CSc., dékan FAV
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EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ OP Vyzkum a vjvoj
INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI pro inovace

Priloha €. 6 zadavaci dokumentace
CESTNE PROHLASENI
O NEEXISTENCI STRETU ZAJMU

Nazev verejné zakazky: Dodavka univerzalniho multifunkéniho depozi¢niho
zarizeni s diagnostikami pro projekt NTIS

Zadavatel: Zapadoceska univerzita v Plzni
Sidlo: Univerzitni 8, 306 14 Plzen

IC: 49777513

DIC: CZ49777513

Uchaze€ timto Cestné prohlasuje, ze u ného nejsou dany podminky pro existenci stfetu
zajmuU ve smyslu ustanoveni zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce, zejména,
ze:

a) se uchaze€ nepodilel na pfipravé ¢i zpracovani této verejné zakazky;

b) se na zpracovani uchazecovy nabidky nepodilel zaméstnanec Zadavatele ¢&i Elen
realizaéniho tymu projektu ¢i osoba, ktera se na zakladé smluvniho vztahu podilela na
pFipravé nebo realizaci predmétného zadavaciho fizeni;

c) nabidka uchaze€e neni zpracovana ve sdruzeni uchazeCe a osoby, ktera je
zaméstnancem Zadavatele ¢i ¢lenem realizaéniho tymu projektu €i osoba, ktera se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo realizaci predmétného zadavaciho
fizeni; =

d) subdodavatelem uchazece neni zaméstnanec Zadavatele, ¢len realizaéniho tymu projektu
Ci osoba, ktera se na zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo realizaci
pfedmétného zadavaciho rizeni.

Dne [doplni uchazeg]

[Obchodni firma + podpis opravnéné
osoby - doplni uchazec]
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(1 soutlad ve sak. & 262/ 2006 Sh. - sdakonik prdce, pe SHend posdesiich predpisi, sak & 1T1T1/1998 Sb.. o vysokych skolach, Snens
POSAGSIch predpivi; sak & 137/2006 Sh. o verepnych sakdskich, pe SNt posdepsich predpisii)

Zapadoceska univerzita v Plzni, 1CO: 49777513, se sidlem Plzen, ul. Univerzitni 8/2732, PSC-

306 14, jednajici doc. PacdDr. lNonou Mauritzovou, Ph.D ., rektorkou, timto

Povéiuje

v souladu (i) s Rozhodnutim rektora & 25R /2012 - Organizaé¢nim tadem Zapadoceské univerzity
v Plzni ze dne 28.08.2012, ZCUI 028615/2012, (1) se zak. ¢. 111/1998 Sh., o vysokych skolach;
(iii) Statutem Zapadoceské univerzity v Plzni ze dne 20.12.2012 a (iv) zak. ¢ 111/1998 Sb., o
vysokych skolach, ve znéni pozd¢jsich predpis,

ke dni 1 8 2013

jméno: FRANTISEK piijmeni: VAVRA narozen dne: 22. dubna 1949, bytem: Alej Svobody
52, 323 00 Plzeii, funkce: dékan Fakulty aplikovanych véd, zaméstnance Zipadoceské
univerzity v Plzni, zejména k:

> zajisténi viech dkond souvisejicich s organizaci, koordinaci a vykonem dinnosti pti
zadavani vefejnych zakazek ve smyslu zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkich, ve
znéni pozdéjsich predpist, v ramci Operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace,
projekt NTIS, CTPVV;

A%

k podpisu viech pravnich dkond souvisejicich se zadavanim verejnych zakazek ve smyslu
zak. ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, v ramci
Operac¢niho programu Vyzkum a VYVO] pro inovace, projekt NTIS, CTPVV.

V Plzni, dne 17. &ervence 2013

Uvedené povéreni pijimam:

doc. Ing. Franti§ek Vavra, CSc., dékan FAV



